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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも二つの芳香族環を有するリターデーション上昇剤を０．１～１５質量％含有
させ、かつ延伸処理を行って下記式（Ｉ）で示されるＲｏを２０～３００ｎｍの範囲に、
式（II）で示されるＲｔを７０～４００ｎｍの範囲にして位相差フィルムを製造するにあ
たり、下記（１）～（３）の条件を満たすように応力を測定しながら延伸を行うことを特
徴とする位相差フィルムの製造方法。
　（１）最大延伸時の応力が破断点応力に対し５０～９８％の範囲で延伸すること
　（２）最大延伸時の応力絶対値が５～５０ＭＰａの範囲で延伸すること
　（３）最大延伸時の応力勾配が０．４～０．８ＭＰａ／％の範囲で延伸すること
　　式（Ｉ）　Ｒｏ＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄ
　　式（II）　Ｒｔ＝｛（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ｝×ｄ〔式中、ｎｘはフィルム面内の
屈折率が最も大きい方向の屈折率、ｎｙはｎｘに直角な方向でのフィルム面内の屈折率、
ｎｚはフィルムの厚み方向の屈折率、ｄはフィルムの厚み（ｎｍ）をそれぞれ表す。〕
【請求項２】
　前記位相差フィルムがセルロースエステルを主成分として含むことを特徴とする請求項
１に記載の位相差フィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記セルロースエステルの総アシル基置換度が２．７～２．９５の範囲であることを特
徴とする請求項２に記載の位相差フィルムの製造方法。
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【請求項４】
　請求項３に記載の位相差フィルムの製造方法であって、前記セルロースエステルを溶媒
に溶解し、金属支持体上に流延を行った後、該支持体からフィルムを剥離後、フィルムの
延伸を行う際に、延伸方向が流延製膜方向に対して直交していることを特徴とする位相差
フィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、位相差フィルム及びその製造方法、並びにそれを用いた偏光板及び液晶表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置の視野角拡大方法として、適当な位相差を有するセルロースエステルフィ
ルムを偏光板保護フィルムとして使用することが知られている。また、セルロースエステ
ルフィルムの位相差発現はセルロースエステルのアシル基置換度と関係が深く、セルロー
スエステルの総アシル基置換度が小さくなる程位相差の発現が大きくなることが一般的に
知られており、液晶表示装置の視野角拡大フィルムにはセルロースエステルのアシル基置
換度を低下させるほうが有利である。しかしながら、セルロースエステルの低置換度化は
フィルムの透湿度が増加し、偏光子の保護機能が失われていく。この問題を解決するため
には、比較的高置換度のセルロースエステルにリターデーション上昇剤を添加する方法が
知られている。（例えば、特許文献１、２、４、５参照。）
　しかしながらリターデーションの発現効率の増加は、同時に位相差の均一性を乱し、液
晶表示装置の視野角のムラを引き起こし、この問題を解決することが重大な課題になって
いた。
【０００３】
　また、リターデーション上昇剤を使用した偏光板を液晶表示装置に接着した場合、偏光
板が及ぼす液晶セルへの応力が液晶セルのギャップを変化させ、表示を不均一にすること
も課題となっていた。
【０００４】
　この問題を解決する為に、流延時の膜厚を制御する方法やリターデーション上昇剤の分
布を制御する技術が提案されている（特許文献３参照。）。しかしながらこの提案の方法
では、製膜後のフィルムの組成が幅手方向で異なり、偏光板化の過程でもケン化処理で幅
手方向に不均一を生じるという問題があり、その改善が求められていた。
【特許文献１】特開２００２－１３１５３８号公報
【特許文献２】特開２００３－０５７４４４号公報
【特許文献３】特開２００２－３４１１４４号公報
【特許文献４】特開２００５－１３４８６３号公報
【特許文献５】特開２００５－１７９６３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑み成されたものであり、その目的はリターデーション値のフィル
ム幅手方向の分布、並びにケン化処理の幅手方向の分布の均一性が改善された位相差フィ
ルム及びその製造方法、並びにそれを用いた偏光板及び偏光板を貼合した液晶セルの反り
量が改善され表示均一性に優れた液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記本発明の目的は以下の構成により達成される。
１．　少なくとも二つの芳香族環を有するリターデーション上昇剤を０．１～１５質量％
含有させ、かつ延伸処理を行って下記式（Ｉ）で示されるＲｏを２０～３００ｎｍの範囲
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に、式（II）で示されるＲｔを７０～４００ｎｍの範囲にして位相差フィルムを製造する
にあたり、下記（１）～（３）の条件を満たすように応力を測定しながら延伸を行うこと
を特徴とする位相差フィルムの製造方法。
　（１）最大延伸時の応力が破断点応力に対し５０～９８％の範囲で延伸すること
　（２）最大延伸時の応力絶対値が５～５０ＭＰａの範囲で延伸すること
　（３）最大延伸時の応力勾配が０．４～０．８ＭＰａ／％の範囲で延伸すること
　　式（Ｉ）　Ｒｏ＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄ
　　式（II）　Ｒｔ＝｛（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ｝×ｄ〔式中、ｎｘはフィルム面内の
屈折率が最も大きい方向の屈折率、ｎｙはｎｘに直角な方向でのフィルム面内の屈折率、
ｎｚはフィルムの厚み方向の屈折率、ｄはフィルムの厚み（ｎｍ）をそれぞれ表す。〕
２．　前記位相差フィルムがセルロースエステルを主成分として含むことを特徴とする１
に記載の位相差フィルムの製造方法。
３．　前記セルロースエステルの総アシル基置換度が２．７～２．９５の範囲であること
を特徴とする２に記載の位相差フィルムの製造方法。
４．　３に記載の位相差フィルムの製造方法であって、前記セルロースエステルを溶媒に
溶解し、金属支持体上に流延を行った後、該支持体からフィルムを剥離後、フィルムの延
伸を行う際に、延伸方向が流延製膜方向に対して直交していることを特徴とする位相差フ
ィルムの製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
 本発明により、リターデーション値のフィルム幅手方向の分布、並びにケン化処理の幅
手方向の分布の均一性が改善された位相差フィルム及びその製造方法、並びにそれを用い
た偏光板及び、偏光板を貼合した液晶セルの反り量が改善され表示均一性に優れた液晶表
示装置を提供することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
【０００９】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１０】
　本発明の位相差フィルムの製造方法について説明する。
【００１１】
　本発明の位相差フィルムに用いられるフィルムとしては、製造が容易であること、光学
的に均一性であること、光学的に透明性であることが好ましい。これらの性質を有してい
れば何れでもよく、例えば、セルロースエステル系フィルム、ポリエステル系フィルム、
ポリカーボネート系フィルム、ポリアリレート系フィルム、ポリスルホン（ポリエーテル
スルホンも含む）系フィルム、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート
等のポリエステルフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、セロファ
ン、セルロースジアセテートフィルム、セルロースアセテートブチレートフィルム、ポリ
塩化ビニリデンフィルム、ポリビニルアルコールフィルム、エチレンビニルアルコールフ
ィルム、シンジオタクティックポリスチレン系フィルム，ポリカーボネートフィルム、ノ
ルボルネン樹脂系フィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリエーテルケトンフィルム
、ポリエーテルケトンイミドフィルム、ポリアミドフィルム、フッ素樹脂フィルム、ナイ
ロンフィルム、シクロオレフィンポリマーフィルム、ポリメチルメタクリレートフィルム
またはアクリルフィルム等を挙げることが出来るが、これらに限定されるわけではない。
これらのフィルムは溶液流延法或いは溶融流延法で製膜されたフィルムが好ましく用いら
れる。これらのうちセルロースエステルフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスル
ホン（ポリエーテルスルホンを含む）、シクロオレフィンポリマーフィルムが好ましく、
本発明においては、特に主成分としてセルロースエステルを含むセルロースエステルフィ
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ルムが、製造上、コスト面、透明性、均一性、接着性等の面から好ましい。
【００１２】
　本発明のセルロースエステルフィルムの製造方法としては、セルロースエステルを溶解
調製したドープ液を支持体（ステンレスベルト等）上に流延、製膜し、得られたフィルム
を支持体から剥ぎ取り（剥離ともいう）、その後、幅手方向に張力をかけて延伸し、乾燥
ゾーン中を搬送させながら乾燥する、溶液流延製膜法が用いられる。下記に、本発明の製
造方法に係る溶液流延製膜法について説明する。尚、長手方向（ＭＤと略記する場合があ
る）とは、機械搬送方向、ドープ流延方向を表し、幅手方向（ＴＤ）とは、フィルム面内
で長手方向と直交する方向を表す。
【００１３】
　《溶液流延製膜方法》
　溶液流延製膜方法について、（a）溶解工程（ｂ）流延工程（ｃ）溶媒蒸発工程（ｄ）
剥離工程（e）乾燥工程の順に説明する。また、（a）溶解工程の中には偏光板保護フィル
ムとして一般的に使用されている樹脂であるセルロースエステル、ドープ作成時に使用さ
れる有機溶媒、添加剤としてリタ－デーション上昇剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、マッ
ト剤、その他添加剤について説明する。
【００１４】
　（ａ）溶解工程：セルロースエステル（フレーク状若しくはパウダー状若しくは顆粒状
（好ましくは平均粒径１００μｍ以上の粒子））に対する良溶媒を主とする有機溶媒に溶
解釜中で該セルロースエステルや添加剤を攪拌しながら溶解し、ドープを形成する工程で
ある。溶解には、常圧で行う方法、良溶媒の沸点以下で行う方法、良溶媒の沸点以上で加
圧して行う方法、冷却溶解法で行う方法、高圧で行う方法等種々の溶解方法がある。溶解
後ドープを濾材で濾過し、脱泡してポンプで次工程に送る。
【００１５】
　上記のドープとは、セルロースエステルと後述する添加剤を有機溶媒に溶解した溶液で
ある。
【００１６】
　（セルロースエステル）
　本発明に用いられるセルロースエステルの原料のセルロースとしては、特に限定はない
が、綿花リンター、木材パルプ、ケナフなどを挙げることが出来る。またそれらから得ら
れたセルロースエステルはそれぞれ任意の割合で混合使用することが出来る。
【００１７】
　本発明に係わるセルロースエステルは、セルロース原料のアシル化剤が酸無水物（無水
酢酸、無水プロピオン酸、無水酪酸）である場合には、酢酸のような有機酸やメチレンク
ロライド等の有機溶媒を用い、硫酸のようなプロトン性触媒を用いて反応が行われる。ア
シル化剤が酸クロライド（ＣＨ3ＣＯＣｌ、Ｃ2Ｈ5ＣＯＣｌ、Ｃ3Ｈ7ＣＯＣｌ）の場合に
は、触媒としてアミンのような塩基性化合物を用いて反応が行われる。具体的には特開平
１０－４５８０４号に記載の方法を参考にして合成することが出来る。セルロースエステ
ルはアシル基がセルロース分子の水酸基に反応する。セルロース分子はグルコースユニッ
トが多数連結したものからなっており、グルコースユニットに３個の水酸基がある。この
３個の水酸基にアシル基が誘導された数を置換度という。例えば、セルローストリアセテ
ートはグルコースユニットの３個の水酸基全てにアセチル基が結合している。
【００１８】
　本発明のセルロースエステルフィルムに用いることが出来るセルロースエステルには特
に限定はないが、下記式（１）及び（２）を同時に満足するものが好ましい。
【００１９】
　　　（１）　２．７≦Ｘ＋Ｙ≦２．９５
　　　（２）　１．９≦Ｘ≦２．９５
　式中、Ｘはアセチル基の置換度、Ｙはプロピオニル基及び／またはブチリル基の置換度
である。上記２式を満足するものは、本発明の目的に叶う優れた光学特性を示すセルロー
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スエステルフィルムを製造するのに適しており、耐熱性に優れ、位相差フィルムとして、
波長分散性が正となり良好なリターデーションのものが得られる。幅手延伸時に光学特性
が均一、特にリターデーション分布のムラの少ないフィルムを得る観点から、更に好まし
くは２．７≦Ｘ＋Ｙ≦２．９が好ましく、２．７≦Ｘ＋Ｙ≦２．８５が更に好ましい。
【００２０】
　本発明に用いられるセルロースエステルとしては、セルロースアセテートプロピオネー
ト、セルロースアセテートブチレート、またはセルロースアセテートプロピオネートブチ
レートのようなアセチル基の他にプロピオネート基或いはブチレート基が結合したセルロ
ースエステルが好ましく用いられる。尚、ブチレートは、ｎ－の他にｉｓｏ－も含む。プ
ロピオネート基の置換度が大きいセルロースアセテートプロピオネートは耐水性に優れる
という特徴がある。
【００２１】
　アシル基の置換度の測定方法はＡＳＴＭ－Ｄ８１７－９６に準じて測定することが出来
る。
【００２２】
　本発明に用いられるセルロースエステルの数平均分子量は、６００００～３０００００
の範囲が、得られるフィルムの機械的強度が強く好ましい。更に７００００～２００００
０のものが好ましく用いられる。
【００２３】
　セルロースエステルの数平均分子量は下記のように測定出来る。
【００２４】
　高速液体クロマトグラフィにより下記条件で測定する。
【００２５】
　溶媒：アセトン
　カラム：ＭＰＷ×１（東ソー（株）製）
　試料濃度：０．２（質量／容量）％
　流量：１．０ｍｌ／分
　試料注入量：３００μｌ
　標準試料：ポリメタクリル酸メチル（重量平均分子量Ｍｗ＝１８８，２００）
　温度：２３℃。
【００２６】
　（有機溶媒）
　セルロースエステルを溶解するドープ形成に有用な有機溶媒としては、塩素系有機溶媒
と非塩素系有機溶媒がある。塩素系の有機溶媒としてメチレンクロライド（塩化メチレン
）を挙げることが出来、セルロースエステル、特にセルローストリアセテートの溶解に適
している。昨今の環境問題から非塩素系有機溶媒の使用が検討されている。非塩素系有機
溶媒としては、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸アミル、アセトン、テトラヒドロフラン、
１，３－ジオキソラン、１，４－ジオキサン、シクロヘキサノン、ギ酸エチル、２，２，
２－トリフルオロエタノール、２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール、１
，３－ジフルオロ－２－プロパノール、１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－
メチル－２－プロパノール、１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－プロパノー
ル、２，２，３，３，３－ペンタフルオロ－１－プロパノール、ニトロエタン等を挙げる
ことが出来る。これらの有機溶媒をセルローストリアセテートに対して使用する場合には
、常温での溶解方法も使用可能であるが、高温溶解方法、冷却溶解方法、高圧溶解方法等
の溶解方法を用いることにより不溶解物を少なくすることが出来るので好ましい。セルロ
ーストリアセテート以外のセルロースエステルに対しては、メチレンクロライドを用いる
ことも出来るが、酢酸メチル、酢酸エチル、アセトンが好ましく使用される。特に酢酸メ
チルが好ましい。本発明において、上記セルロースエステルに対して良好な溶解性を有す
る有機溶媒を良溶媒といい、また溶解に主たる効果を示し、その中で大量に使用する有機
溶媒を主有機溶媒または主たる有機溶媒という。本発明における良溶媒とは、２５℃にお
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いて溶媒１００ｇに５ｇ以上のセルロースエステルを溶解する溶媒とする。
【００２７】
　本発明に用いられるドープには、上記有機溶媒の他に、１質量％～４０質量％の炭素原
子数１～４のアルコールを含有させることが好ましい。これらはドープを金属支持体に流
延後溶媒が蒸発をし始めアルコールの比率が多くなるとウェブがゲル化し、ウェブを丈夫
にし金属支持体から剥離することを容易にするゲル化溶媒として用いられたり、これらの
割合が少ない時は非塩素系有機溶媒のセルロースエステルの溶解を促進する役割もある。
炭素原子数１～４のアルコールとしては、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、
ｉｓｏ－プロパノール、ｎ－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール等
を挙げることが出来る。これらのうちドープの安定性に優れ、沸点も比較的低く、乾燥性
も良く、且つ毒性がないこと等からエタノールが好ましい。これらの有機溶媒は単独では
セルロースエステルに対して溶解性に乏しいため、貧溶媒の範疇に入る。本発明における
貧溶媒とは、２５℃において溶媒１００ｇに５ｇ未満のセルロースエステルを溶解する溶
媒とする。
【００２８】
　フィルム面質の向上の観点からは、ドープ中のセルロースエステルの濃度は１５質量％
～４０質量％に調整し、ドープ粘度は１０Ｐａ・ｓ～５０Ｐａ・ｓの範囲に調整すること
が好ましい。
【００２９】
　本発明に用いられるドープには、下記のような種々の素材を用いても良い。
【００３０】
　〈添加剤〉
　ドープ中には、可塑剤、紫外線防止剤、酸化防止剤、染料、マット剤、リターデーショ
ン上昇剤等が添加されることがあり、本発明では少なくとも二つの芳香族環からなるリタ
ーデーション上昇剤を含むことが特徴である。
【００３１】
　これらの化合物は、セルロースエステル溶液の調製の際に、セルロースエステルや溶媒
と共に添加してもよいし、溶液調製中や調製後に添加してもよい。リターデーション上昇
剤以外では、液晶画面表示装置用には耐熱耐湿性を付与する可塑剤、酸化防止剤や紫外線
防止剤などを添加することが好ましい。
【００３２】
　《リターデーション上昇剤》
　本発明の位相差フィルムは、少なくとも二つの芳香族環からなる芳香族化合物を使用す
る。
【００３３】
　芳香族化合物はセルロースアセテート１００質量部に対して、０．１～１５質量部の範
囲で使用することが好ましく、０．５～１０質量部の範囲で使用することが更に好ましい
。二種類以上の芳香族化合物を併用してもよい。芳香族化合物の芳香族環には、芳香族炭
化水素環に加えて、芳香族性ヘテロ環を含む。芳香族性ヘテロ環であることが特に好まし
く、芳香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環である。
【００３４】
　芳香族化合物が有する芳香族環の数は２～２０であることが好ましく、２～１２である
ことがより好ましく、２～８であることが更に好ましく、３～６であることが最も好まし
い。二つの芳香族環の結合関係は、（ａ）縮合環を形成する場合、（ｂ）単結合で直結す
る場合及び（ｃ）連結基を介して結合する場合に分類出来る（芳香族環のため、スピロ結
合は形成出来ない）。結合関係は、（ａ）～（ｃ）のいずれでもよい。
【００３５】
　（ａ）の縮合環（二つ以上の芳香族環の縮合環）の例には、インデン環、ナフタレン環
、アズレン環、フルオレン環、フェナントレン環、アントラセン環、アセナフチレン環、
ナフタセン環、ピレン環、インドール環、イソインドール環、ベンゾフラン環、ベンゾチ
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オフェン環、インドリジン環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾイミ
ダゾール環、ベンゾトリアゾール環、プリン環、インダゾール環、クロメン環、キノリン
環、イソキノリン環、キノリジン環、キナゾリン環、シンノリン環、キノキサリン環、フ
タラジン環、プテリジン環、カルバゾール環、アクリジン環、フェナントリジン環、キサ
ンテン環、フェナジン環、フェノチアジン環、フェノキサチイン環、フェノキサジン環及
びチアントレン環が含まれる。ナフタレン環、アズレン環、インドール環、ベンゾオキサ
ゾール環、ベンゾチアゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリアゾール環及びキノ
リン環が好ましい。
【００３６】
　（ｂ）の単結合は、二つの芳香族環の炭素原子間の結合であることが好ましい。二以上
の単結合で二つの芳香族環を結合して、二つの芳香族環の間に脂肪族環または非芳香族性
複素環を形成してもよい。
【００３７】
　（ｃ）の連結基も二つの芳香族環の炭素原子と結合することが好ましい。連結基は、ア
ルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、－ＣＯ－、－Ｏ－、－ＮＨ－、－Ｓ－ま
たはそれらの組み合わせであることが好ましい。組み合わせからなる連結基の例を以下に
示す。尚、以下の連結基の例の左右の関係は、逆になってもよい。
【００３８】
　－ＣＯ－Ｏ－、－ＣＯ－ＮＨ－、－アルキレン－Ｏ－、－ＮＨ－ＣＯ－ＮＨ－、－ＮＨ
－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－Ｏ－、－Ｏ－アルキレン－Ｏ－、－ＣＯ－アルケニレン－、
－ＣＯ－アルケニレン－ＮＨ－、－ＣＯ－アルケニレン－Ｏ－、－アルキレン－ＣＯ－Ｏ
－アルキレン－Ｏ－ＣＯ－アルキレン－、－Ｏ－アルキレン－ＣＯ－Ｏ－アルキレン－Ｏ
－ＣＯ－アルキレン－Ｏ－、－Ｏ－ＣＯ－アルキレン－ＣＯ－Ｏ－、－ＮＨ－ＣＯ－アル
ケニレン－、－Ｏ－ＣＯ－アルケニレン－。
【００３９】
　芳香族環及び連結基は置換基を有していてもよい。置換基の例には、ハロゲン原子（Ｆ
、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ）、ヒドロキシル、カルボキシル、シアノ、アミノ、ニトロ、スルホ、
カルバモイル、スルファモイル、ウレイド、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、
脂肪族アシル基、脂肪族アシルオキシ基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アル
コキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、脂肪族アミド基、
脂肪族スルホンアミド基、脂肪族置換アミノ基、脂肪族置換カルバモイル基、脂肪族置換
スルファモイル基、脂肪族置換ウレイド基及び非芳香族性複素環基が含まれる。
【００４０】
　アルキル基の炭素原子数は１～８であることが好ましい。環状アルキル基よりも鎖状ア
ルキル基の方が好ましく、直鎖状アルキル基が特に好ましい。アルキル基は、更に置換基
（例、ヒドロキシ、カルボキシ、アルコキシ基、アルキル置換アミノ基）を有していても
よい。アルキル基の（置換アルキル基を含む）例には、メチル、エチル、ｎ－ブチル、ｎ
－ヘキシル、２－ヒドロキシエチル、４－カルボキシブチル、２－メトキシエチル及び２
－ジエチルアミノエチルが含まれる。アルケニル基の炭素原子数は、２～８であることが
好ましい。環状アルケニル基よりも鎖状アルケニル基の方が好ましく、直鎖状アルケニル
基が特に好ましい。アルケニル基は、更に置換基を有していてもよい。アルケニル基の例
には、ビニル、アリル及び１－ヘキセニルが含まれる。アルキニル基の炭素原子数は、２
～８であることが好ましい。環状アルキケニル基よりも鎖状アルキニル基の方が好ましく
、直鎖状アルキニル基が特に好ましい。アルキニル基は、更に置換基を有していてもよい
。アルキニル基の例には、エチニル、１－ブチニル及び１－ヘキシニルが含まれる。
【００４１】
　脂肪族アシル基の炭素原子数は１～１０であることが好ましい。脂肪族アシル基の例に
は、アセチル、プロパノイル及びブタノイルが含まれる。脂肪族アシルオキシ基の炭素原
子数は、１～１０であることが好ましい。脂肪族アシルオキシ基の例には、アセトキシが
含まれる。アルコキシ基の炭素原子数は１～８であることが好ましい。アルコキシ基は、
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更に置換基（例、アルコキシ基）を有していてもよい。アルコキシ基の（置換アルコキシ
基を含む）例には、メトキシ、エトキシ、ブトキシ及びメトキシエトキシが含まれる。ア
ルコキシカルボニル基の炭素原子数は２～１０であることが好ましい。アルコキシカルボ
ニル基の例には、メトキシカルボニル及びエトキシカルボニルが含まれる。アルコキシカ
ルボニルアミノ基の炭素原子数は、２～１０であることが好ましい。アルコキシカルボニ
ルアミノ基の例には、メトキシカルボニルアミノ及びエトキシカルボニルアミノが含まれ
る。
【００４２】
　アルキルチオ基の炭素原子数は１～１２であることが好ましい。アルキルチオ基の例に
は、メチルチオ、エチルチオ及びオクチルチオが含まれる。アルキルスルホニル基の炭素
原子数は、１～８であることが好ましい。アルキルスルホニル基の例には、メタンスルホ
ニル及びエタンスルホニルが含まれる。脂肪族アミド基の炭素原子数は、１～１０である
ことが好ましい。脂肪族アミド基の例には、アセトアミドが含まれる。脂肪族スルホンア
ミド基の炭素原子数は、１～８であることが好ましい。脂肪族スルホンアミド基の例には
、メタンスルホンアミド、ブタンスルホンアミド及びｎ－オクタンスルホンアミドが含ま
れる。脂肪族置換アミノ基の炭素原子数は、１～１０であることが好ましい。脂肪族置換
アミノ基の例には、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ及び２－カルボキシエチルアミノが
含まれる。脂肪族置換カルバモイル基の炭素原子数は２～１０であることが好ましい。脂
肪族置換カルバモイル基の例には、メチルカルバモイル及びジエチルカルバモイルが含ま
れる。脂肪族置換スルファモイル基の炭素原子数は、１～８であることが好ましい。脂肪
族置換スルファモイル基の例には、メチルスルファモイル及びジエチルスルファモイルが
含まれる。脂肪族置換ウレイド基の炭素原子数は、２～１０であることが好ましい。脂肪
族置換ウレイド基の例には、メチルウレイドが含まれる。非芳香族性複素環基の例には、
ピペリジノ及びモルホリノが含まれる。リターデーション上昇剤の分子量は、３００～８
００であることが好ましい。
【００４３】
　本発明に係る芳香族化合物としては、下記棒状化合物、若しくは１，３，５－トリアジ
ン環を有する化合物が特に好ましい。
【００４４】
　〈棒状化合物〉
　本発明の光学フィルムは、溶液の紫外線吸収スペクトルの最大吸収波長（λｍａｘ）が
２５０ｎｍより短波長である棒状化合物を含有することが好ましい。
【００４５】
　リターデーション値制御剤の機能の観点では、棒状化合物は少なくとも二つの芳香族環
を有する。棒状化合物は、直線的な分子構造を有することが好ましい。直線的な分子構造
とは、熱力学的に最も安定な構造において棒状化合物の分子構造が直線的であることを意
味する。熱力学的に最も安定な構造は、結晶構造解析または分子軌道計算によって求める
ことが出来る。例えば、分子軌道計算ソフト（例、ＷｉｎＭＯＰＡＣ２０００、富士通（
株）製）を用いて分子軌道計算を行い、化合物の生成熱が最も小さくなるような分子の構
造を求めることが出来る。分子構造が直線的であるとは、上記のように計算して求められ
る熱力学的に最も安定な構造において、分子構造の角度が１４０度以上であることを意味
する。棒状化合物は、液晶性を示すことが好ましい。棒状化合物は、加熱により液晶性を
示す（サーモトロピック液晶性を有する）ことが更に好ましい。液晶相は、ネマチィク相
またはスメクティック相が好ましい。
【００４６】
　棒状化合物としては、下記一般式（１）で表されるトランス－１，４－シクロヘキサン
ジカルボン酸エステル化合物が好ましい。
【００４７】
　一般式（１）　Ａｒ1－Ｌ1－Ａｒ2

　式（１）において、Ａｒ1及びＡｒ2は、それぞれ独立に、芳香族基である。本明細書に
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おいて、芳香族基は、アリール基（芳香族性炭化水素基）、置換アリール基、芳香族性ヘ
テロ環基及び置換芳香族性ヘテロ環基を含む。アリール基及び置換アリール基の方が、芳
香族性ヘテロ環基及び置換芳香族性ヘテロ環基よりも好ましい。芳香族性へテロ環基のヘ
テロ環は、一般には不飽和である。芳香族性ヘテロ環は、５員環、６員環または７員環で
あることが好ましく、５員環または６員環であることが更に好ましい。芳香族性へテロ環
は一般に最多の二重結合を有する。ヘテロ原子としては、窒素原子、酸素原子または硫黄
原子が好ましく、窒素原子または硫黄原子が更に好ましい。芳香族性へテロ環の例には、
フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾー
ル環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリアゾール環
、ピラン環、ピリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環、及び１，３，５－
トリアジン環が含まれる。芳香族基の芳香族環としては、ベンゼン環、フラン環、チオフ
ェン環、ピロール環、オキサゾール環、チアゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環
、ピリジン環、ピリミジン環及びピラジン環が好ましく、ベンゼン環が特に好ましい。
【００４８】
　置換アリール基及び置換芳香族性ヘテロ環基の置換基の例には、ハロゲン原子（Ｆ、Ｃ
ｌ、Ｂｒ、Ｉ）、ヒドロキシル、カルボキシル、シアノ、アミノ、アルキルアミノ基（例
、メチルアミノ、エチルアミノ、ブチルアミノ、ジメチルアミノ）、ニトロ、スルホ、カ
ルバモイル、アルキルカルバモイル基（例、Ｎ－メチルカルバモイル、Ｎ－エチルカルバ
モイル、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル）、スルファモイル、アルキルスルファモイル基
（例、Ｎ－メチルスルファモイル、Ｎ－エチルスルファモイル、Ｎ，Ｎ－ジメチルスルフ
ァモイル）、ウレイド、アルキルウレイド基（例、Ｎ－メチルウレイド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルウレイド、Ｎ，Ｎ，Ｎ’－トリメチルウレイド）、アルキル基（例、メチル、エチル、
プロピル、ブチル、ペンチル、ヘプチル、オクチル、イソプロピル、ｓ－ブチル、ｔ－ア
ミル、シクロヘキシル、シクロペンチル）、アルケニル基（例、ビニル、アリル、ヘキセ
ニル）、アルキニル基（例、エチニル、ブチニル）、アシル基（例、ホルミル、アセチル
、ブチリル、ヘキサノイル、ラウリル）、アシルオキシ基（例、アセトキシ、ブチリルオ
キシ、ヘキサノイルオキシ、ラウリルオキシ）、アルコキシ基（例、メトキシ、エトキシ
、プロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ）、アリー
ルオキシ基（例、フェノキシ）、アルコキシカルボニル基（例、メトキシカルボニル、エ
トキシカルボニル、プロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、ペンチルオキシカルボ
ニル、ヘプチルオキシカルボニル）、アリールオキシカルボニル基（例、フェノキシカル
ボニル）、アルコキシカルボニルアミノ基（例、ブトキシカルボニルアミノ、ヘキシルオ
キシカルボニルアミノ）、アルキルチオ基（例、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ
、ブチルチオ、ペンチルチオ、ヘプチルチオ、オクチルチオ）、アリールチオ基（例、フ
ェニルチオ）、アルキルスルホニル基（例、メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロ
ピルスルホニル、ブチルスルホニル、ペンチルスルホニル、ヘプチルスルホニル、オクチ
ルスルホニル）、アミド基（例、アセトアミド、ブチルアミド基、ヘキシルアミド、ラウ
リルアミド）及び非芳香族性複素環基（例、モルホリル、ピラジニル）が含まれる。
【００４９】
　置換アリール基及び置換芳香族性ヘテロ環基の置換基としては、ハロゲン原子、シアノ
、カルボキシル、ヒドロキシル、アミノ、アルキル置換アミノ基、アシル基、アシルオキ
シ基、アミド基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基及びアルキル
基が好ましい。アルキルアミノ基、アルコキシカルボニル基、アルコキシ基及びアルキル
チオ基のアルキル部分とアルキル基とは、更に置換基を有していてもよい。アルキル部分
及びアルキル基の置換基の例には、ハロゲン原子、ヒドロキシル、カルボキシル、シアノ
、アミノ、アルキルアミノ基、ニトロ、スルホ、カルバモイル、アルキルカルバモイル基
、スルファモイル、アルキルスルファモイル基、ウレイド、アルキルウレイド基、アルケ
ニル基、アルキニル基、アシル基、アシルオキシ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、
アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニルアミノ基
、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルスルホニル基、アミド基及び非芳香族性複
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素環基が含まれる。アルキル部分及びアルキル基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒド
ロキシル、アミノ、アルキルアミノ基、アシル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、ア
ルコキシカルボニル基及びアルコキシ基が好ましい。
【００５０】
　一般式（１）において、Ｌ1は、アルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、二
価の飽和ヘテロ環基、－Ｏ－、－ＣＯ－及びそれらの組み合わせからなる群より選ばれる
二価の連結基である。アルキレン基は、環状構造を有していてもよい。環状アルキレン基
としては、シクロヘキシレンが好ましく、１，４－シクロへキシレンが特に好ましい。鎖
状アルキレン基としては、直鎖状アルキレン基の方が分岐を有するアルキレン基よりも好
ましい。アルキレン基の炭素原子数は、１～２０であることが好ましく、１～１５である
ことがより好ましく、１～１０であることが更に好ましく、１～８であることが更にまた
好ましく、１～６であることが最も好ましい。
【００５１】
　アルケニレン基及びアルキニレン基は、環状構造よりも鎖状構造を有することが好まし
く、分岐を有する鎖状構造よりも直鎖状構造を有することが更に好ましい。アルケニレン
基及びアルキニレン基の炭素原子数は、２～１０であることが好ましく、２～８であるこ
とがより好ましく、２～６であることが更に好ましく、２～４であることが更にまた好ま
しく、２（ビニレンまたはエチニレン）であることが最も好ましい。二価の飽和ヘテロ環
基は、３員～９員のヘテロ環を有することが好ましい。ヘテロ環のヘテロ原子は、酸素原
子、窒素原子、ホウ素原子、硫黄原子、ケイ素原子、リン原子またはゲルマニウム原子が
好ましい。飽和ヘテロ環の例には、ピペリジン環、ピペラジン環、モルホリン環、ピロリ
ジン環、イミダゾリジン環、テトラヒドロフラン環、テトラヒドロピラン環、１，３－ジ
オキサン環、１，４－ジオキサン環、テトラヒドロチオフェン環、１，３－チアゾリジン
環、１，３－オキサゾリジン環、１，３－ジオキソラン環、１，３－ジチオラン環及び１
，３，２－ジオキサボロランが含まれる。特に好ましい二価の飽和ヘテロ環基は、ピペラ
ジン－１，４－ジイレン、１，３－ジオキサン－２，５－ジイレン及び１，３，２－ジオ
キサボロラン－２，５－ジイレンである。
【００５２】
　組み合わせからなる二価の連結基の例を示す。
【００５３】
　Ｌ－１：－Ｏ－ＣＯ－アルキレン基－ＣＯ－Ｏ－
　Ｌ－２：－ＣＯ－Ｏ－アルキレン基－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ－３：－Ｏ－ＣＯ－アルケニレン基－ＣＯ－Ｏ－
　Ｌ－４：－ＣＯ－Ｏ－アルケニレン基－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ－５：－Ｏ－ＣＯ－アルキニレン基－ＣＯ－Ｏ－
　Ｌ－６：－ＣＯ－Ｏ－アルキニレン基－Ｏ－ＣＯ－
　Ｌ－７：－Ｏ－ＣＯ－二価の飽和ヘテロ環基－ＣＯ－Ｏ－
　Ｌ－８：－ＣＯ－Ｏ－二価の飽和ヘテロ環基－Ｏ－ＣＯ－
　一般式（１）の分子構造において、Ｌ1を挟んで、Ａｒ1とＡｒ2とが形成する角度は、
１４０度以上であることが好ましい。棒状化合物としては、下記一般式（２）で表される
化合物が更に好ましい。
【００５４】
　一般式（２）　Ａｒ1－Ｌ2－Ｘ－Ｌ3－Ａｒ2

　一般式（２）において、Ａｒ1及びＡｒ2は、それぞれ独立に、芳香族基である。芳香族
基の定義及び例は、一般式（１）のＡｒ1及びＡｒ2と同様である。
【００５５】
　一般式（２）において、Ｌ2及びＬ3は、それぞれ独立に、アルキレン基、－Ｏ－、－Ｃ
Ｏ－及びそれらの組み合わせからなる群より選ばれる二価の連結基である。アルキレン基
は、環状構造よりも鎖状構造を有することが好ましく、分岐を有する鎖状構造よりも直鎖
状構造を有することが更に好ましい。アルキレン基の炭素原子数は、１～１０であること
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４であることが更にまた好ましく、１または２（メチレンまたはエチレン）であることが
最も好ましい。Ｌ2及びＬ3は、－Ｏ－ＣＯ－または－ＣＯ－Ｏ－であることが特に好まし
い。
【００５６】
　一般式（２）において、Ｘは、１，４－シクロへキシレン、ビニレンまたはエチニレン
である。以下に、一般式（１）で表される化合物の具体例を示す。
【００５７】
【化１】

【００５８】
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【００５９】
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【００６１】
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【化５】

【００６２】
　具体例（１）～（３４）、（４１）、（４２）、（４６）、（４７）、（５２）、（５
３）は、シクロヘキサン環の１位と４位とに二つの不斉炭素原子を有する。但し、具体例
（１）、（４）～（３４）、（４１）、（４２）、（４６）、（４７）、（５２）、（５
３）は、対称なメソ型の分子構造を有するため光学異性体（光学活性）はなく、幾何異性
体（トランス型とシス型）のみ存在する。具体例（１）のトランス型（１－ｔｒａｎｓ）
とシス型（１－ｃｉｓ）とを、以下に示す。
【００６３】



(16) JP 4710505 B2 2011.6.29

10

20

30

40

【化６】

【００６４】
　前述したように、棒状化合物は直線的な分子構造を有することが好ましい。その為、ト
ランス型の方がシス型よりも好ましい。具体例（２）及び（３）は、幾何異性体に加えて
光学異性体（合計４種の異性体）を有する。幾何異性体については、同様にトランス型の
方がシス型よりも好ましい。光学異性体については、特に優劣はなく、Ｄ、Ｌ或いはラセ
ミ体のいずれでもよい。具体例（４３）～（４５）では、中心のビニレン結合にトランス
型とシス型とがある。上記と同様の理由で、トランス型の方がシス型よりも好ましい。

　溶液の紫外線吸収スペクトルにおいて最大吸収波長（λｍａｘ）が２５０ｎｍより短波
長である棒状化合物を、二種類以上併用してもよい。棒状化合物は、文献記載の方法を参
照して合成出来る。文献としては、Ｍｏｌ．Ｃｒｙｓｔ．Ｌｉｑ．Ｃｒｙｓｔ．，５３巻
、２２９頁（１９７９年）、同８９巻、９３頁（１９８２年）、同１４５巻、１１１頁（
１９８７年）、同１７０巻、４３頁（１９８９年）、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１
１３巻、１３４９頁（１９９１年）、同１１８巻、５３４６頁（１９９６年）、同９２巻
、１５８２頁（１９７０年）、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，４０巻、４２０頁（１９７５年
）、Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ、４８巻１６号、３４３７頁（１９９２年）を挙げることが
出来る。
【００６５】
　また、本発明の円盤状化合物として、１，３，５－トリアジン環を有する化合物を好ま
しく用いることが出来る。
【００６６】
　１，３，５－トリアジン環を有する化合物は、中でも、下記一般式（３）で表される化
合物が好ましい。
【００６７】
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【化７】

【００６８】
　一般式（３）において、Ｘ1は、単結合、－ＮＲ4－、－Ｏ－または－Ｓ－であり；Ｘ2

は単結合、－ＮＲ5－、－Ｏ－または－Ｓ－であり；Ｘ3は単結合、－ＮＲ6－、－Ｏ－ま
たは－Ｓ－であり；Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はアルキル基、アルケニル基、アリール基または複
素環基であり；そして、Ｒ4、Ｒ5及びＲ6は、水素原子、アルキル基、アルケニル基、ア
リール基または複素環基である。一般式（３）で表される化合物は、メラミン化合物であ
ることが特に好ましい。
【００６９】
　メラミン化合物では、一般式（３）において、Ｘ1、Ｘ2及びＸ3が、それぞれ、－ＮＲ4

－、－ＮＲ5－及び－ＮＲ6－であるか、或いは、Ｘ1、Ｘ2及びＸ3が単結合であり、且つ
、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3が窒素原子に遊離原子価を持つ複素環基である。－Ｘ1－Ｒ1、－Ｘ2－
Ｒ2及び－Ｘ3－Ｒ3は、同一の置換基であることが好ましい。Ｒ1、Ｒ2及びＲ3は、アリー
ル基であることが特に好ましい。Ｒ4、Ｒ5及びＲ6は、水素原子であることが特に好まし
い。
【００７０】
　上記アルキル基は、環状アルキル基よりも鎖状アルキル基である方が好ましい。分岐を
有する鎖状アルキル基よりも、直鎖状アルキル基の方が好ましい。
【００７１】
　アルキル基の炭素原子数は、１～３０であることが好ましく、１～２０であることがよ
り好ましく、１～１０であることが更に好ましく、１～８であることが更にまた好ましく
、１～６であることが最も好ましい。アルキル基は置換基を有していてもよい。
【００７２】
　置換基の具体例としては、例えばハロゲン原子、アルコキシ基（例えばメトキシ、エト
キシ、エポキシエチルオキシ等の各基）及びアシルオキシ基（例えば、アクリロイルオキ
シ、メタクリロイルオキシ）等が挙げられる。上記アルケニル基は、環状アルケニル基よ
りも鎖状アルケニル基である方が好ましい。分岐を有する鎖状アルケニル基よりも、直鎖
状アルケニル基の方が好ましい。アルケニル基の炭素原子数は、２～３０であることが好
ましく、２～２０であることがより好ましく、２～１０であることが更に好ましく、２～
８であることが更にまた好ましく、２～６であることが最も好ましい。アルケニル基は、
置換基を有していてもよい。
【００７３】
　置換基の具体例としては、ハロゲン原子、アルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ
、エポキシエチルオキシ等の各基）またはアシルオキシ基（例えば、アクリロイルオキシ
、メタクリロイルオキシ等の各基）が挙げられる。
【００７４】
　上記アリール基は、フェニル基またはナフチル基であることが好ましく、フェニル基で
あることが特に好ましい。アリール基は置換基を有していてもよい。
【００７５】
　置換基の具体例としては、例えば、ハロゲン原子、ヒドロキシル、シアノ、ニトロ、カ
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ルボキシル、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アルケニルオキシ
基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アルケニルオキシカ
ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、スルファモイル、アルキル置換スルファモイ
ル基、アルケニル置換スルファモイル基、アリール置換スルファモイル基、スルホンアミ
ド基、カルバモイル、アルキル置換カルモイル基、アルケニル置換カルバモイル基、アリ
ール置換カルバモイル基、アミド基、アルキルチオ基、アルケニルチオ基、アリールチオ
基及びアシル基が含まれる。上記アルキル基は、前述したアルキル基と同義である。
【００７６】
　アルコキシ基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アルキル置換スルファモイ
ル基、スルホンアミド基、アルキル置換カルバモイル基、アミド基、アルキルチオ基とア
シル基のアルキル部分も、前述したアルキル基と同義である。
【００７７】
　上記アルケニル基は、前述したアルケニル基と同義である。
【００７８】
　アルケニルオキシ基、アシルオキシ基、アルケニルオキシカルボニル基、アルケニル置
換スルファモイル基、スルホンアミド基、アルケニル置換カルバモイル基、アミド基、ア
ルケニルチオ基及びアシル基のアルケニル部分も、前述したアルケニル基と同義である。
【００７９】
　上記アリール基の具体例としては、例えば、フェニル、α－ナフチル、β－ナフチル、
４－メトキシフェニル、３，４－ジエトキシフェニル、４－オクチルオキシフェニルまた
は４－ドデシルオキシフェニル等の各基が挙げられる。
【００８０】
　アリールオキシ基、アシルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリール置換スル
ファモイル基、スルホンアミド基、アリール置換カルバモイル基、アミド基、アリールチ
オ基及びアシル基の部分の例は、上記アリール基と同義である。
【００８１】
　Ｘ1、Ｘ2またはＸ3が－ＮＲ－、－Ｏ－または－Ｓ－である場合の複素環基は、芳香族
性を有することが好ましい。
【００８２】
　芳香族性を有する複素環基中の複素環としては、一般に不飽和複素環であり、好ましく
は最多の二重結合を有する複素環である。複素環は、５員環、６員環または７員環である
ことが好ましく、５員環または６員環であることが更に好ましく、６員環であることが最
も好ましい。
【００８３】
　複素環中のヘテロ原子は、Ｎ、ＳまたはＯ等の各原子であることが好ましく、Ｎ原子で
あることが特に好ましい。
【００８４】
　芳香族性を有する複素環としては、ピリジン環（複素環基としては、例えば、２－ピリ
ジルまたは４－ピリジル等の各基）が特に好ましい。複素環基は、置換基を有していても
よい。複素環基の置換基の例は、上記アリール部分の置換基の例と同様である。
【００８５】
　Ｘ1、Ｘ2またはＸ3が単結合である場合の複素環基は、窒素原子に遊離原子価を持つ複
素環基であることが好ましい。窒素原子に遊離原子価を持つ複素環基は、５員環、６員環
または７員環であることが好ましく、５員環または６員環であることが更に好ましく、５
員環であることが最も好ましい。複素環基は、複数の窒素原子を有していてもよい。
【００８６】
　また、複素環基中のヘテロ原子は、窒素原子以外のヘテロ原子（例えば、Ｏ原子、Ｓ原
子）を有していてもよい。複素環基は、置換基を有していてもよい。複素環基の置換基の
具体例は、上記アリール部分の置換基の具体例と同義である。
【００８７】
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　以下に、窒素原子に遊離原子価を持つ複素環基の具体例を示す。
【００８８】
【化８】

【００８９】
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【化９】

【００９０】
　１，３，５－トリアジン環を有する化合物の分子量は、３００～２０００であることが
好ましい。該化合物の沸点は、２６０℃以上であることが好ましい。沸点は、市販の測定
装置（例えば、ＴＧ／ＤＴＡ１００、セイコー電子工業（株）製）を用いて測定出来る。
【００９１】
　以下に、１，３，５－トリアジン環を有する化合物の具体例を示す。
【００９２】
　尚、以下に示す複数のＲは同一の基を表す。
【００９３】
【化１０】

【００９４】
　（１）ブチル
　（２）２－メトキシ－２－エトキシエチル
　（３）５－ウンデセニル
　（４）フェニル
　（５）４－エトキシカルボニルフェニル
　（６）４－ブトキシフェニル
　（７）ｐ－ビフェニリル
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　（８）４－ピリジル
　（９）２－ナフチル
　（１０）２－メチルフェニル
　（１１）３，４－ジメトキシフェニル
　（１２）２－フリル
【００９５】
【化１１】

【００９６】
【化１２】

【００９７】
　（１４）フェニル
　（１５）３－エトキシカルボニルフェニル
　（１６）３－ブトキシフェニル
　（１７）ｍ－ビフェニリル
　（１８）３－フェニルチオフェニル
　（１９）３－クロロフェニル
　（２０）３－ベンゾイルフェニル
　（２１）３－アセトキシフェニル
　（２２）３－ベンゾイルオキシフェニル
　（２３）３－フェノキシカルボニルフェニル
　（２４）３－メトキシフェニル
　（２５）３－アニリノフェニル
　（２６）３－イソブチリルアミノフェニル
　（２７）３－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（２８）３－（３－エチルウレイド）フェニル
　（２９）３－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（３０）３－メチルフェニル
　（３１）３－フェノキシフェニル
　（３２）３－ヒドロキシフェニル
　（３３）４－エトキシカルボニルフェニル
　（３４）４－ブトキシフェニル
　（３５）ｐ－ビフェニリル
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　（３６）４－フェニルチオフェニル
　（３７）４－クロロフェニル
　（３８）４－ベンゾイルフェニル
　（３９）４－アセトキシフェニル
　（４０）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（４１）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（４２）４－メトキシフェニル
　（４３）４－アニリノフェニル
　（４４）４－イソブチリルアミノフェニル
　（４５）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（４６）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（４７）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（４８）４－メチルフェニル
　（４９）４－フェノキシフェニル
　（５０）４－ヒドロキシフェニル
　（５１）３，４－ジエトキシカルボニルフェニル
　（５２）３，４－ジブトキシフェニル
　（５３）３，４－ジフェニルフェニル
　（５４）３，４－ジフェニルチオフェニル
　（５５）３，４－ジクロロフェニル
　（５６）３，４－ジベンゾイルフェニル
　（５７）３，４－ジアセトキシフェニル
　（５８）３，４－ジベンゾイルオキシフェニル
　（５９）３，４－ジフェノキシカルボニルフェニル
　（６０）３，４－ジメトキシフェニル
　（６１）３，４－ジアニリノフェニル
　（６２）３，４－ジメチルフェニル
　（６３）３，４－ジフェノキシフェニル
　（６４）３，４－ジヒドロキシフェニル
　（６５）２－ナフチル
　（６６）３，４，５－トリエトキシカルボニルフェニル
　（６７）３，４，５－トリブトキシフェニル
　（６８）３，４，５－トリフェニルフェニル
　（６９）３，４，５－トリフェニルチオフェニル
　（７０）３，４，５－トリクロロフェニル
　（７１）３，４，５－トリベンゾイルフェニル
　（７２）３，４，５－トリアセトキシフェニル
　（７３）３，４，５－トリベンゾイルオキシフェニル
　（７４）３，４，５－トリフェノキシカルボニルフェニル
　（７５）３，４，５－トリメトキシフェニル
　（７６）３，４，５－トリアニリノフェニル
　（７７）３，４，５－トリメチルフェニル
　（７８）３，４，５－トリフェノキシフェニル
　（７９）３，４，５－トリヒドロキシフェニル
【００９８】
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【化１３】

【００９９】
　（８０）フェニル
　（８１）３－エトキシカルボニルフェニル
　（８２）３－ブトキシフェニル
　（８３）ｍ－ビフェニリル
　（８４）３－フェニルチオフェニル
　（８５）３－クロロフェニル
　（８６）３－ベンゾイルフェニル
　（８７）３－アセトキシフェニル
　（８８）３－ベンゾイルオキシフェニル
　（８９）３－フェノキシカルボニルフェニル
　（９０）３－メトキシフェニル
　（９１）３－アニリノフェニル
　（９２）３－イソブチリルアミノフェニル
　（９３）３－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（９４）３－（３－エチルウレイド）フェニル
　（９５）３－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（９６）３－メチルフェニル
　（９７）３－フェノキシフェニル
　（９８）３－ヒドロキシフェニル
　（９９）４－エトキシカルボニルフェニル
　（１００）４－ブトキシフェニル
　（１０１）ｐ－ビフェニリル
　（１０２）４－フェニルチオフェニル
　（１０３）４－クロロフェニル
　（１０４）４－ベンゾイルフェニル
　（１０５）４－アセトキシフェニル
　（１０６）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（１０７）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（１０８）４－メトキシフェニル
　（１０９）４－アニリノフェニル
　（１１０）４－イソブチリルアミノフェニル
　（１１１）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（１１２）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（１１３）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（１１４）４－メチルフェニル
　（１１５）４－フェノキシフェニル
　（１１６）４－ヒドロキシフェニル
　（１１７）３，４－ジエトキシカルボニルフェニル
　（１１８）３，４－ジブトキシフェニル
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　（１１９）３，４－ジフェニルフェニル
　（１２０）３，４－ジフェニルチオフェニル
　（１２１）３，４－ジクロロフェニル
　（１２２）３，４－ジベンゾイルフェニル
　（１２３）３，４－ジアセトキシフェニル
　（１２４）３，４－ジベンゾイルオキシフェニル
　（１２５）３，４－ジフェノキシカルボニルフェニル
　（１２６）３，４－ジメトキシフェニル
　（１２７）３，４－ジアニリノフェニル
　（１２８）３，４－ジメチルフェニル
　（１２９）３，４－ジフェノキシフェニル
　（１３０）３，４－ジヒドロキシフェニル
　（１３１）２－ナフチル
　（１３２）３，４，５－トリエトキシカルボニルフェニル
　（１３３）３，４，５－トリブトキシフェニル
　（１３４）３，４，５－トリフェニルフェニル
　（１３５）３，４，５－トリフェニルチオフェニル
　（１３６）３，４，５－トリクロロフェニル
　（１３７）３，４，５－トリベンゾイルフェニル
　（１３８）３，４，５－トリアセトキシフェニル
　（１３９）３，４，５－トリベンゾイルオキシフェニル
　（１４０）３，４，５－トリフェノキシカルボニルフェニル
　（１４１）３，４，５－トリメトキシフェニル
　（１４２）３，４，５－トリアニリノフェニル
　（１４３）３，４，５－トリメチルフェニル
　（１４４）３，４，５－トリフェノキシフェニル
　（１４５）３，４，５－トリヒドロキシフェニル
【０１００】

【化１４】

【０１０１】
　（１４６）フェニル
　（１４７）４－エトキシカルボニルフェニル
　（１４８）４－ブトキシフェニル
　（１４９）ｐ－ビフェニリル
　（１５０）４－フェニルチオフェニル
　（１５１）４－クロロフェニル
　（１５２）４－ベンゾイルフェニル
　（１５３）４－アセトキシフェニル
　（１５４）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（１５５）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（１５６）４－メトキシフェニル
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　（１５７）４－アニリノフェニル
　（１５８）４－イソブチリルアミノフェニル
　（１５９）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（１６０）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（１６１）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（１６２）４－メチルフェニル
　（１６３）４－フェノキシフェニル
　（１６４）４－ヒドロキシフェニル
【０１０２】
【化１５】

【０１０３】
　（１６５）フェニル
　（１６６）４－エトキシカルボニルフェニル
　（１６７）４－ブトキシフェニル
　（１６８）ｐ－ビフェニリル
　（１６９）４－フェニルチオフェニル
　（１７０）４－クロロフェニル
　（１７１）４－ベンゾイルフェニル
　（１７２）４－アセトキシフェニル
　（１７３）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（１７４）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（１７５）４－メトキシフェニル
　（１７６）４－アニリノフェニル
　（１７７）４－イソブチリルアミノフェニル
　（１７８）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（１７９）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（１８０）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（１８１）４－メチルフェニル
　（１８２）４－フェノキシフェニル
　（１８３）４－ヒドロキシフェニル
【０１０４】

【化１６】
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【０１０５】
　（１８４）フェニル
　（１８５）４－エトキシカルボニルフェニル
　（１８６）４－ブトキシフェニル
　（１８７）ｐ－ビフェニリル
　（１８８）４－フェニルチオフェニル
　（１８９）４－クロロフェニル
　（１９０）４－ベンゾイルフェニル
　（１９１）４－アセトキシフェニル
　（１９２）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（１９３）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（１９４）４－メトキシフェニル
　（１９５）４－アニリノフェニル
　（１９６）４－イソブチリルアミノフェニル
　（１９７）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（１９８）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（１９９）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（２００）４－メチルフェニル
　（２０１）４－フェノキシフェニル
　（２０２）４－ヒドロキシフェニル
【０１０６】

【化１７】

【０１０７】
　（２０３）フェニル
　（２０４）４－エトキシカルボニルフェニル
　（２０５）４－ブトキシフェニル
　（２０６）ｐ－ビフェニリル
　（２０７）４－フェニルチオフェニル
　（２０８）４－クロロフェニル
　（２０９）４－ベンゾイルフェニル
　（２１０）４－アセトキシフェニル
　（２１１）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（２１２）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（２１３）４－メトキシフェニル
　（２１４）４－アニリノフェニル
　（２１５）４－イソブチリルアミノフェニル
　（２１６）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（２１７）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（２１８）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（２１９）４－メチルフェニル
　（２２０）４－フェノキシフェニル
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　（２２１）４－ヒドロキシフェニル
【０１０８】
【化１８】

【０１０９】
　（２２２）フェニル
　（２２３）４－ブチルフェニル
　（２２４）４－（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（２２５）４－（５－ノネニル）フェニル
　（２２６）ｐ－ビフェニリル
　（２２７）４－エトキシカルボニルフェニル
　（２２８）４－ブトキシフェニル
　（２２９）４－メチルフェニル
　（２３０）４－クロロフェニル
　（２３１）４－フェニルチオフェニル
　（２３２）４－ベンゾイルフェニル
　（２３３）４－アセトキシフェニル
　（２３４）４－ベンゾイルオキシフェニル
　（２３５）４－フェノキシカルボニルフェニル
　（２３６）４－メトキシフェニル
　（２３７）４－アニリノフェニル
　（２３８）４－イソブチリルアミノフェニル
　（２３９）４－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（２４０）４－（３－エチルウレイド）フェニル
　（２４１）４－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（２４２）４－フェノキシフェニル
　（２４３）４－ヒドロキシフェニル
　（２４４）３－ブチルフェニル
　（２４５）３－（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（２４６）３－（５－ノネニル）フェニル
　（２４７）ｍ－ビフェニリル
　（２４８）３－エトキシカルボニルフェニル
　（２４９）３－ブトキシフェニル
　（２５０）３－メチルフェニル
　（２５１）３－クロロフェニル
　（２５２）３－フェニルチオフェニル
　（２５３）３－ベンゾイルフェニル
　（２５４）３－アセトキシフェニル
　（２５５）３－ベンゾイルオキシフェニル
　（２５６）３－フェノキシカルボニルフェニル
　（２５７）３－メトキシフェニル
　（２５８）３－アニリノフェニル
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　（２５９）３－イソブチリルアミノフェニル
　（２６０）３－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（２６１）３－（３－エチルウレイド）フェニル
　（２６２）３－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（２６３）３－フェノキシフェニル
　（２６４）３－ヒドロキシフェニル
　（２６５）２－ブチルフェニル
　（２６６）２－（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（２６７）２－（５－ノネニル）フェニル
　（２６８）ｏ－ビフェニリル
　（２６９）２－エトキシカルボニルフェニル
　（２７０）２－ブトキシフェニル
　（２７１）２－メチルフェニル
　（２７２）２－クロロフェニル
　（２７３）２－フェニルチオフェニル
　（２７４）２－ベンゾイルフェニル
　（２７５）２－アセトキシフェニル
　（２７６）２－ベンゾイルオキシフェニル
　（２７７）２－フェノキシカルボニルフェニル
　（２７８）２－メトキシフェニル
　（２７９）２－アニリノフェニル
　（２８０）２－イソブチリルアミノフェニル
　（２８１）２－フェノキシカルボニルアミノフェニル
　（２８２）２－（３－エチルウレイド）フェニル
　（２８３）２－（３，３－ジエチルウレイド）フェニル
　（２８４）２－フェノキシフェニル
　（２８５）２－ヒドロキシフェニル
　（２８６）３，４－ジブチルフェニル
　（２８７）３，４－ジ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（２８８）３，４－ジフェニルフェニル
　（２８９）３，４－ジエトキシカルボニルフェニル
　（２９０）３，４－ジドデシルオキシフェニル
　（２９１）３，４－ジメチルフェニル
　（２９２）３，４－ジクロロフェニル
　（２９３）３，４－ジベンゾイルフェニル
　（２９４）３，４－ジアセトキシフェニル
　（２９５）３，４－ジメトキシフェニル
　（２９６）３，４－ジ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（２９７）３，４－ジイソブチリルアミノフェニル
　（２９８）３，４－ジフェノキシフェニル
　（２９９）３，４－ジヒドロキシフェニル
　（３００）３，５－ジブチルフェニル
　（３０１）３，５－ジ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（３０２）３，５－ジフェニルフェニル
　（３０３）３，５－ジエトキシカルボニルフェニル
　（３０４）３，５－ジドデシルオキシフェニル
　（３０５）３，５－ジメチルフェニル
　（３０６）３，５－ジクロロフェニル
　（３０７）３，５－ジベンゾイルフェニル
　（３０８）３，５－ジアセトキシフェニル
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　（３０９）３，５－ジメトキシフェニル
　（３１０）３，５－ジ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（３１１）３，５－ジイソブチリルアミノフェニル
　（３１２）３，５－ジフェノキシフェニル
　（３１３）３，５－ジヒドロキシフェニル
　（３１４）２，４－ジブチルフェニル
　（３１５）２，４－ジ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（３１６）２，４－ジフェニルフェニル
　（３１７）２，４－ジエトキシカルボニルフェニル
　（３１８）２，４－ジドデシルオキシフェニル
　（３１９）２，４－ジメチルフェニル
　（３２０）２，４－ジクロロフェニル
　（３２１）２，４－ジベンゾイルフェニル
　（３２２）２，４－ジアセトキシフェニル
　（３２３）２，４－ジメトキシフェニル
　（３２４）２，４－ジ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（３２５）２，４－ジイソブチリルアミノフェニル
　（３２６）２，４－ジフェノキシフェニル
　（３２７）２，４－ジヒドロキシフェニル
　（３２８）２，３－ジブチルフェニル
　（３２９）２，３－ジ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（３３０）２，３－ジフェニルフェニル
　（３３１）２，３－ジエトキシカルボニルフェニル
　（３３２）２，３－ジドデシルオキシフェニル
　（３３３）２，３－ジメチルフェニル
　（３３４）２，３－ジクロロフェニル
　（３３５）２，３－ジベンゾイルフェニル
　（３３６）２，３－ジアセトキシフェニル
　（３３７）２，３－ジメトキシフェニル
　（３３８）２，３－ジ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（３３９）２，３－ジイソブチリルアミノフェニル
　（３４０）２，３－ジフェノキシフェニル
　（３４１）２，３－ジヒドロキシフェニル
　（３４２）２，６－ジブチルフェニル
　（３４３）２，６－ジ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（３４４）２，６－ジフェニルフェニル
　（３４５）２，６－ジエトキシカルボニルフェニル
　（３４６）２，６－ジドデシルオキシフェニル
　（３４７）２，６－ジメチルフェニル
　（３４８）２，６－ジクロロフェニル
　（３４９）２，６－ジベンゾイルフェニル
　（３５０）２，６－ジアセトキシフェニル
　（３５１）２，６－ジメトキシフェニル
　（３５２）２，６－ジ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（３５３）２，６－ジイソブチリルアミノフェニル
　（３５４）２，６－ジフェノキシフェニル
　（３５５）２，６－ジヒドロキシフェニル
　（３５６）３，４，５－トリブチルフェニル
　（３５７）３，４，５－トリ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（３５８）３，４，５－トリフェニルフェニル
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　（３５９）３，４，５－トリエトキシカルボニルフェニル
　（３６０）３，４，５－トリドデシルオキシフェニル
　（３６１）３，４，５－トリメチルフェニル
　（３６２）３，４，５－トリクロロフェニル
　（３６３）３，４，５－トリベンゾイルフェニル
　（３６４）３，４，５－トリアセトキシフェニル
　（３６５）３，４，５－トリメトキシフェニル
　（３６６）３，４，５－トリ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（３６７）３，４，５－トリイソブチリルアミノフェニル
　（３６８）３，４，５－トリフェノキシフェニル
　（３６９）３，４，５－トリヒドロキシフェニル
　（３７０）２，４，６－トリブチルフェニル
　（３７１）２，４，６－トリ（２－メトキシ－２－エトキシエチル）フェニル
　（３７２）２，４，６－トリフェニルフェニル
　（３７３）２，４，６－トリエトキシカルボニルフェニル
　（３７４）２，４，６－トリドデシルオキシフェニル
　（３７５）２，４，６－トリメチルフェニル
　（３７６）２，４，６－トリクロロフェニル
　（３７７）２，４，６－トリベンゾイルフェニル
　（３７８）２，４，６－トリアセトキシフェニル
　（３７９）２，４，６－トリメトキシフェニル
　（３８０）２，４，６－トリ－Ｎ－メチルアミノフェニル
　（３８１）２，４，６－トリイソブチリルアミノフェニル
　（３８２）２，４，６－トリフェノキシフェニル
　（３８３）２，４，６－トリヒドロキシフェニル
　（３８４）ペンタフルオロフェニル
　（３８５）ペンタクロロフェニル
　（３８６）ペンタメトキシフェニル
　（３８７）６－Ｎ－メチルスルファモイル－８－メトキシ－２－ナフチル
　（３８８）５－Ｎ－メチルスルファモイル－２－ナフチル
　（３８９）６－Ｎ－フェニルスルファモイル－２－ナフチル
　（３９０）５－エトキシ－７－Ｎ－メチルスルファモイル－２－ナフチル
　（３９１）３－メトキシ－２－ナフチル
　（３９２）１－エトキシ－２－ナフチル
　（３９３）６－Ｎ－フェニルスルファモイル－８－メトキシ－２－ナフチル
　（３９４）５－メトキシ－７－Ｎ－フェニルスルファモイル－２－ナフチル
　（３９５）１－（４－メチルフェニル）－２－ナフチル
　（３９６）６，８－ジ－Ｎ－メチルスルファモイル－２－ナフチル
　（３９７）６－Ｎ－２－アセトキシエチルスルファモイル－８－メトキシ－２－ナフチ
ル
　（３９８）５－アセトキシ－７－Ｎ－フェニルスルファモイル－２－ナフチル
　（３９９）３－ベンゾイルオキシ－２－ナフチル
　（４００）５－アセチルアミノ－１－ナフチル
　（４０１）２－メトキシ－１－ナフチル
　（４０２）４－フェノキシ－１－ナフチル
　（４０３）５－Ｎ－メチルスルファモイル－１－ナフチル
　（４０４）３－Ｎ－メチルカルバモイル－４－ヒドロキシ－１－ナフチル
　（４０５）５－メトキシ－６－Ｎ－エチルスルファモイル－１－ナフチル
　（４０６）７－テトラデシルオキシ－１－ナフチル
　（４０７）４－（４－メチルフェノキシ）－１－ナフチル
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　（４０８）６－Ｎ－メチルスルファモイル－１－ナフチル
　（４０９）３－Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル－４－メトキシ－１－ナフチル
　（４１０）５－メトキシ－６－Ｎ－ベンジルスルファモイル－１－ナフチル
　（４１１）３，６－ジ－Ｎ－フェニルスルファモイル－１－ナフチル
　（４１２）メチル
　（４１３）エチル
　（４１４）ブチル
　（４１５）オクチル
　（４１６）ドデシル
　（４１７）２－ブトキシ－２－エトキシエチル
　（４１８）ベンジル
　（４１９）４－メトキシベンジル
【０１１０】
【化１９】

【０１１１】
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　（４２４）メチル
　（４２５）フェニル
　（４２６）ブチル
【０１１２】
【化２０】

【０１１３】
　（４３０）メチル
　（４３１）エチル
　（４３２）ブチル
　（４３３）オクチル
　（４３４）ドデシル
　（４３５）２－ブトキシ２－エトキシエチル
　（４３６）ベンジル
　（４３７）４－メトキシベンジル
【０１１４】
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【０１１５】
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【化２２】

【０１１６】
　本発明においては、１，３，５－トリアジン環を有する化合物として、メラミンポリマ
ーを用いてもよい。メラミンポリマーは、下記一般式（４）で示すメラミン化合物とカル
ボニル化合物との重合反応により合成することが好ましい。
【０１１７】

【化２３】

【０１１８】
　上記合成反応スキームにおいて、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15及びＲ16は、水素原子
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、アルキル基、アルケニル基、アリール基または複素環基である。
【０１１９】
　上記アルキル基、アルケニル基、アリール基及び複素環基及びこれらの置換基は前記一
般式（３）で説明した各基、それらの置換基と同義である。
【０１２０】
　メラミン化合物とカルボニル化合物との重合反応は、通常のメラミン樹脂（例えば、メ
ラミンホルムアルデヒド樹脂等）の合成方法と同様である。また、市販のメラミンポリマ
ー（メラミン樹脂）を用いてもよい。
【０１２１】
　メラミンポリマーの分子量は、２千～４０万であることが好ましい。メラミンポリマー
の繰り返し単位の具体例を以下に示す。
【０１２２】
【化２４】

【０１２３】
　ＭＰ－１：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－３：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－４：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－６：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7

ＣＨ3

　ＭＰ－７：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－８：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－９：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１３：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１４：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１６：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１７：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１８：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１９：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－２０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－２１：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－２２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－２３：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－２４：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－２５：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2O－ｎ－Ｃ4Ｈ9
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　ＭＰ－２６：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－２７：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－２８：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－２９：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣ
Ｈ3

　ＭＰ－３０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３２：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３３：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３４：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣ
Ｈ3

　ＭＰ－３５：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３６：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－３８：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ
Ｈ
　ＭＰ－３９：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ４Ｈ９；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－４０：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ

2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－４１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣ
Ｈ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－４２：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ
16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－４３：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ

2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－４４：Ｒ13：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ
16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－４５：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7

ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－４６：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ

2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－４７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7

ＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－４８：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7

ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－４９：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ

2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－５０：Ｒ13：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ

2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2
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　ＭＰ－５５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2
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2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－９４：Ｒ13：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ
16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－９５：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7

ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－９６：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ

2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－９７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7

ＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－９８：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7

ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－９９：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ

2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－１００：Ｒ13：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ14：Ｃ
Ｈ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2
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　ＭＰ－１０１：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１０２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１０３：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１０４：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１０５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１０６：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2

）7ＣＨ3

　ＭＰ－１０７：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１０８：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１０９：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１１０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１１１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１１２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１１３：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１１４：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１１５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１１６：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１１７：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１１８：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１１９：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１２０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１２１：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9
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　ＭＰ－１２４：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9
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4Ｈ9

　ＭＰ－１３１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ



(40) JP 4710505 B2 2011.6.29

10

20

30

40

4Ｈ9

　ＭＰ－１３２：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１３３：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１３４：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ
ＣＨ3

　ＭＰ－１３５：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１３６：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１３７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１３８：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2

ＯＨ
　ＭＰ－１３９：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１４０：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１４１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ
ＣＨ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１４２：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１４３：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１４４：Ｒ13：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１４５：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2

）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１４６：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－１４７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2

）7ＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3
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【化２７】

【０１２９】
　ＭＰ－１５１：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１５２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１５３：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１５４：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１５５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１５６：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2

）7ＣＨ3

　ＭＰ－１５７：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１５８：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１５９：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１６０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１６１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１６２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１６３：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１６４：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１６５：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１６６：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１６７：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１６８：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１６９：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１７０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｉ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１７１：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１７２：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１７３：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１７４：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１７５：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１７６：Ｒ13、Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１７７：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ
　ＭＰ－１７８：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１７９：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ
ＣＨ3

　ＭＰ－１８０：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１８１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１８２：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ
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4Ｈ9

　ＭＰ－１８３：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１８４：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ
ＣＨ3

　ＭＰ－１８５：Ｒ13、Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2O－ｎ－Ｃ4

Ｈ9

　ＭＰ－１８６：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１８７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14、Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ

4Ｈ9

　ＭＰ－１８８：Ｒ13、Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2

ＯＨ
　ＭＰ－１８９：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１９０：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１９１：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ
ＣＨ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１９２：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１９３：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9

　ＭＰ－１９４：Ｒ13：ＣＨ2Ｏ－ｎ－Ｃ4Ｈ9；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；
Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１９５：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2

）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１９６：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－１９７：Ｒ13：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ14：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2

）7ＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2；Ｒ16：ＣＨ2ＯＣＨ3

　ＭＰ－１９８：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2

）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　ＭＰ－１９９：Ｒ13：ＣＨ2ＯＣＨ3；Ｒ14：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ15：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝Ｃ
Ｈ2；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3

　ＭＰ－２００：Ｒ13：ＣＨ2ＮＨＣＯ（ＣＨ2）7ＣＨ＝ＣＨ（ＣＨ2）7ＣＨ3；Ｒ14：Ｃ
Ｈ2ＯＣＨ3；Ｒ15：ＣＨ2ＯＨ；Ｒ16：ＣＨ2ＮＨＣＯＣＨ＝ＣＨ2

　本発明においては、上記繰り返し単位を二種類以上組み合わせたコポリマーを用いても
よい。二種類以上のホモポリマーまたはコポリマーを併用してもよい。
【０１３０】
　また、二種類以上の１，３，５－トリアジン環を有する化合物を併用してもよい。二種
類以上の円盤状化合物（例えば、１，３，５－トリアジン環を有する化合物とポルフィリ
ン骨格を有する化合物）を併用してもよい。
【０１３１】
　その他、リターデーション上昇剤としては、安息香酸フェニルエステル化合物を好まし
くもちいることができる。
［安息香酸フェニルエステル化合物］
　本発明に用いられる一般式（５）で表される化合物に関して詳細に説明する。
【０１３２】
　一般式（５）



(43) JP 4710505 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

【０１３３】
【化２８】

【０１３４】
（式中、Ｒ０、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１０はそれぞ
れ独立に水素原子または置換基を表し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５のうち少なく
とも１つは電子供与性基を表す。）
　一般式（５）中、Ｒ０、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１

０はそれぞれ独立に水素原子、または置換基を表し、置換基は後述の置換基Ｔが適用でき
る。
【０１３５】
　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５のうち少なくとも１つは電子供与性基を表す。好ま
しくはＲ１、Ｒ３または５のうちの１つが電子供与性基であり、Ｒ３が電子供与性基であ
ることがより好ましい。
【０１３６】
　電子供与性基とはＨａｍｍｅｔのσｐ値が０以下のものを表し、Ｃｈｅｍ．Ｒｅｖ．，
９１，１６５（１９９１）．記載のＨａｍｍｅｔのσｐ値が０以下のものが好ましく適用
でき、より好ましくは－０．８５～０のものが用いられる。例えば、アルキル基、アルコ
キシ基、アミノ基、水酸基などが挙げられる。
【０１３７】
　電子供与性基として好ましくはアルキル基、アルコキシ基であり、より好ましくはアル
コキシ基（好ましくは炭素数１～１２、より好ましくは炭素数１～８、更に好ましくは炭
素数１～６特に好ましくは炭素数１～４である。）である。
【０１３８】
　Ｒ１として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくはアルキル
基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、炭素数１～４のアルキル
基、炭素数１～１２のアルコキシ基、水酸基であり、特に好ましくはアルコキシ基（好ま
しくは炭素数１～１２、より好ましくは炭素数１～８、更に好ましくは炭素数１～６、特
に好ましくは炭素数１～４）であり、最も好ましくはメトキシ基である。
【０１３９】
　Ｒ２として好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であ
り、より好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素
原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～４、より好ましくはメチル基である。）、アル
コキシ基（好ましくは炭素数１～１２、より好ましくは炭素数１～８、更に好ましくは炭
素数１～６、特に好ましくは炭素数１～４）である。特に好ましくは水素原子、メチル基
、メトキシ基であり、最も好ましくは水素原子である。
【０１４０】
　Ｒ３として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくは水素原子
、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、アルキル基、
アルコキシ基であり、特に好ましくはアルコキシ基（好ましくは炭素数１～１２、より好
ましくは炭素数１～８、更に好ましくは炭素数１～６、特に好ましくは炭素数１～４）で
ある。最も好ましくはｎ－プロポキシ基、エトキシ基、メトキシ基である。
【０１４１】
　Ｒ４として好ましくは、水素原子または電子供与性基であり、より好ましくは水素原子
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、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であり、更に好ましくは、水素原子、炭
素数１～４のアルキル基、炭素数１～１２のアルコキシ基（好ましくは炭素数１～１２、
より好ましくは炭素数１～８、更に好ましくは炭素数１～６、特に好ましくは炭素数１～
４）であり、特に好ましくは水素原子、炭素数１～４のアルキル基、炭素数１～４のアル
コキシ基であり、最も好ましくは水素原子、メチル基、メトキシ基である。
【０１４２】
　Ｒ５として好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アミノ基、水酸基であ
り、より好ましくは、水素原子、アルキル基、アルコキシ基であり、更に好ましくは水素
原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～４より好ましくはメチル基である。）、アルコ
キシ基（好ましくは炭素数１～１２、より好ましくは炭素数１～８、更に好ましくは炭素
数１～６特に好ましくは炭素数１～４）である。特に好ましくは水素原子、メチル基、メ
トキシ基である。最も好ましくは水素原子である。
【０１４３】
　Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１０として好ましくは水素原子、炭素数１～１２のアルキル
基、炭素数１～１２のアルコキシ基、ハロゲン原子であり、より好ましくは、水素原子、
ハロゲン原子であり、更に好ましくは水素原子である。
【０１４４】
　Ｒ０は水素原子または置換基を表し、Ｒ０として好ましくは水素原子、炭素数１～４の
アルキル基、炭素数２～６のアルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭素数１～１
２のアルコキシ基、炭素数６～１２のアリールオキシ基、炭素数２～１２のアルコキシカ
ルボニル基、炭素数２～１２のアシルアミノ基、シアノ基、カルボニル基またはハロゲン
原子である。
【０１４５】
　一般式（５）のうちより好ましくは下記一般式（６）である。
【０１４６】
　次に、一般式（６）で表される化合物に関して詳細に説明する。
【０１４７】
　一般式（６）
【０１４８】
【化２９】

【０１４９】
（式中Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１０はそれぞれ独立に
水素原子または置換基を表し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５のうち少なくとも１つ
は電子供与性基を表す。Ｒ８は水素原子、炭素数１～４のアルキル基、炭素数２～６のア
ルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数６～
１２のアリールオキシ基、炭素数２～１２のアルコキシカルボニル基、炭素数２～１２の
アシルアミノ基、シアノ基、カルボニル基、またはハロゲン原子を表す。）
　一般式（５）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１０はそ
れぞれ独立に水素原子、または置換基を表す。
【０１５０】
　Ｒ８は水素原子、炭素数１～４のアルキル基、炭素数２～１２のアルキニル基、炭素数
６～１２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数６～１２のアリールオキ
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シ基、炭素数２～１２のアルコキシカルボニル基、炭素数２～１２のアシルアミノ基、シ
アノ基、カルボニル基またはハロゲン原子を表し、可能な場合には置換基を有してもよく
、置換基としては後述の置換基Ｔが適用できる。また、置換基が更に置換してもよい。
【０１５１】
　　Ｒ８として好ましくは炭素数１～４のアルキル基、炭素数２～１２のアルキニル基、
炭素数６～１２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数２～１２のアルコ
キシカルボニル基、炭素数２～１２のアシルアミノ基、シアノ基であり、より好ましくは
、炭素数２～１２のアルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭素数２～１２のアル
コキシカルボニル基、炭素数２～１２のアシルアミノ基、シアノ基であり、更に好ましく
は、炭素数２～７のアルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭素数２～６のアルコ
キシカルボニル基、炭素数２～７のアシルアミノ基、シアノ基であり、特に好ましくは、
フェニルエチニル基、フェニル基、ｐ－シアノフェニル基、ｐ－メトキシフェニル基、ベ
ンゾイルアミノ基、ｎ－プロポキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、メトキシカル
ボニル基、シアノ基である。
【０１５２】
　一般式（６）のうちより好ましくは下記一般式（６－Ａ）である。
【０１５３】
　一般式（６－Ａ）
【０１５４】
【化３０】

【０１５５】
（式中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１０はそれぞれ独立に水素
原子、または置換基を表す。Ｒ８は水素原子、炭素数１～４のアルキル基、炭素数２～１
２のアルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素
数６～１２のアリールオキシ基、炭素数２～１２のアルコキシカルボニル基、炭素数２～
１２のアシルアミノ基、シアノ基、カルボニル基またはハロゲン原子を表す。Ｒ１１は炭
素数１～１２のアルキル基を表す。）
　　一般式（６－Ａ）中、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９およびＲ１

０はそれぞれ一般式（６）におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である
。
【０１５６】
　　一般式（６－Ａ）中、Ｒ１１は炭素数１～１２のアルキル基を表し、Ｒ１１で表され
るアルキル基は直鎖でも分岐があってもよく、また更に置換基を有してもよいが、好まし
くは炭素数１～１２のアルキル基、より好ましくは炭素数１～８アルキル基、更に好まし
くは炭素数１～６アルキル基、特に好ましくは炭素数１～４のアルキル基（例えば、メチ
ル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ－ブチル
基、ｔｅｒｔ－ブチル基などが挙げられる。）である。
【０１５７】
　一般式（６）のうちより好ましくは下記一般式（６－Ｂ）である。
【０１５８】
　一般式（６－Ｂ）
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【０１５９】
【化３１】

【０１６０】
（式中、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ９およびＲ１０はそれぞれ独立に水素原子、
または置換基を表す。Ｒ８は水素原子、炭素数１～４のアルキル基、炭素数２～１２のア
ルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数６～
１２のアリールオキシ基、炭素数２～１２のアルコキシカルボニル基、炭素数２～１２の
アシルアミノ基、シアノ基、カルボニル基またはハロゲン原子を表す。Ｒ１１は炭素数１
～１２のアルキル基を表す。Ｒ１２は水素原子または炭素数１～４のアルキル基を表す。
）
　一般式（６－Ｂ）中、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１０およびＲ１

１は一般式（６－Ａ）におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。
【０１６１】
　一般式（６－Ｂ）中、Ｒ１２は水素原子または炭素数１～４のアルキル基を表し、好ま
しくは水素原子または炭素数１～３のアルキル基であり、より好ましくは、水素原子、メ
チル基、エチル基であり、更に好ましくは水素原子またはメチル基であり、特に好ましく
はメチル基である。
【０１６２】
　一般式（６－Ｂ）のうち好ましくは下記一般式（７）または（６－Ｃ）である。
【０１６３】
　一般式（７）
【０１６４】

【化３２】

【０１６５】
（式中、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ１１およびＲ１２は一般式（６－Ｂ）におけるそれらと同
義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｘは炭素数２～７のアルキニル基、炭素数６
～１２のアリール基、炭素数２～６のアルコキシカルボニル基、炭素数２～７のアシルア
ミノ基、シアノ基を表す。）
　一般式（７）中、Ｘは炭素数２～７のアルキニル基、炭素数６～１２のアリール基、炭
素数２～６のアルコキシカルボニル基、炭素数２～７のアシルアミノ基、シアノ基を表し
、好ましくは、フェニルエニチル基、フェニル基、ｐ－シアノフェニル基、ｐ－メトキシ
フェニル基、ベンゾイルアミノ基、炭素数２～４のアルコキシカルボニル基、シアノ基で
あり、より好ましくは、フェニル基、ｐ－シアノフェニル基、ｐ－メトキシフェニル基、
炭素数２～４のアルコキシカルボニル基、シアノ基である。
【０１６６】
　以下一般式（６－Ｃ）に関して説明する。
【０１６７】
　一般式（６－Ｃ）
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【化３３】

【０１６９】
（式中、Ｒ２、Ｒ４、Ｒ５、は一般式（６－Ｂ）におけるそれらと同義であり、また好ま
しい範囲も同様だが、いずれか１つは－ＯＲ１３で表される基である（Ｒ１３は炭素数１
～４のアルキル基である。）。Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は
一般式（６－Ｂ）におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。）
　一般式（６－Ｃ）中、Ｒ２、Ｒ４およびＲ５は一般式（６－Ｂ）におけるそれらと同義
であり、また好ましい範囲も同様だが、いずれか１つは－ＯＲ１３で表される基であり（
Ｒ１３は炭素数１～４のアルキル基である。）、好ましくはＲ４、Ｒ５が－ＯＲ１３で表
される基であり、より好ましくはＲ４が－ＯＲ１３で表される基である。
【０１７０】
　　Ｒ１３は炭素数１～４のアルキル基を表し、好ましくは炭素数１～３のアルキル基で
あり、より好ましくはエチル基、メチル基であり、更に好ましくはメチル基である。
【０１７１】
　一般式（６－Ｃ）のうち更に好ましくは一般式（６－Ｄ）である。
【０１７２】
　一般式（６－Ｄ）
【０１７３】
【化３４】

【０１７４】
（式中、Ｒ２、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１およびＲ１２は一般式（
６－Ｃ）におけるそれらと同義であり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ１４は炭素数
１～４のアルキル基を表す。）
　Ｒ１４は炭素数１～４のアルキル基を表し、好ましくは炭素数１～３のアルキル基であ
り、より好ましくはエチル基、メチル基であり、更に好ましくはメチル基である。
【０１７５】
　一般式（６－Ｄ）のうち好ましくは下記一般式（６－Ｅ）である。
【０１７６】
　一般式（６－Ｅ）
【０１７７】
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【化３５】

【０１７８】
（式中、Ｒ８、Ｒ１１、Ｒ１２およびＲ１４は一般式（６－Ｄ）におけるそれらと同義で
あり、また好ましい範囲も同様である。Ｒ２０は水素原子または置換基を表す。）
　Ｒ２０は水素原子または置換基を表し、置換基としては後述の置換基Ｔが適用できる。
またＲ２０は直接連結したベンゼン環のどの位置に置換してもよいが、Ｒ２０が複数存在
することはない。Ｒ２０として好ましくは水素原子または置換基のすべての原子数から水
素を除いた構成原子数が４以下の置換基であり、より好ましくは水素原子または置換基の
すべての原子数から水素を除いた構成原子数が３以下の置換基であり、更に好ましくは水
素原子または置換基のすべての原子数から水素を除いた構成原子数が２以下の置換基であ
り、特に好ましくは、水素原子、メチル基、メトキシ基、ハロゲン原子、ホルミル基、シ
アノ基であり、特に好ましくは水素原子である。
【０１７９】
　以下に前述の置換基Ｔについて説明する。
【０１８０】
　置換基Ｔとしては例えばアルキル基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素
数１～１２、特に好ましくは炭素数１～８であり、例えばメチル、エチル、ｉｓｏ－プロ
ピル、ｔｅｒｔ－ブチル、ｎ－オクチル、ｎ－デシル、ｎ－ヘキサデシル、シクロプロピ
ル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが挙げられる。）、アルケニル基（好ましくは
炭素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１２、特に好ましくは炭素数２～８であり、
例えばビニル、アリル、２－ブテニル、３－ペンテニルなどが挙げられる。）、アルキニ
ル基（好ましくは炭素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１２、特に好ましくは炭素
数２～８であり、例えばプロパルギル、３－ペンチニルなどが挙げられる。）、アリール
基（好ましくは炭素数６～３０、より好ましくは炭素数６～２０、特に好ましくは炭素数
６～１２であり、例えばフェニル、ｐ－メチルフェニル、ナフチルなどが挙げられる。）
、置換又は未置換のアミノ基（好ましくは炭素数０～２０、より好ましくは炭素数０～１
０、特に好ましくは炭素数０～６であり、例えばアミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ
、ジエチルアミノ、ジベンジルアミノなどが挙げられる。）、アルコキシ基（好ましくは
炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１２、特に好ましくは炭素数１～８であり、
例えばメトキシ、エトキシ、ブトキシなどが挙げられる。）、アリールオキシ基（好まし
くは炭素数６～２０、より好ましくは炭素数６～１６、特に好ましくは炭素数６～１２で
あり、例えばフェニルオキシ、２－ナフチルオキシなどが挙げられる。）、
　アシル基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好ましく
は炭素数１～１２であり、例えばアセチル、ベンゾイル、ホルミル、ピバロイルなどが挙
げられる。）、アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素数２～２０、より好ましくは炭
素数２～１６、特に好ましくは炭素数２～１２であり、例えばメトキシカルボニル、エト
キシカルボニルなどが挙げられる。）、アリールオキシカルボニル基（好ましくは炭素数
７～２０、より好ましくは炭素数７～１６、特に好ましくは炭素数７～１０であり、例え
ばフェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。）、アシルオキシ基（好ましくは炭素数
２～２０、より好ましくは炭素数２～１６、特に好ましくは炭素数２～１０であり、例え
ばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げられる。）、アシルアミノ基（好ましくは炭
素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１６、特に好ましくは炭素数２～１０であり、
例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノなどが挙げられる。）、アルコキシカルボニル
アミノ基（好ましくは炭素数２～２０、より好ましくは炭素数２～１６、特に好ましくは
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ルオキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数７～２０、より好ましくは炭素数７～１
６、特に好ましくは炭素数７～１２であり、例えばフェニルオキシカルボニルアミノなど
が挙げられる。）、スルホニルアミノ基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭
素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメタンスルホニルアミノ、
ベンゼンスルホニルアミノなどが挙げられる。）、
　スルファモイル基（好ましくは炭素数０～２０、より好ましくは炭素数０～１６、特に
好ましくは炭素数０～１２であり、例えばスルファモイル、メチルスルファモイル、ジメ
チルスルファモイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられる。）、カルバモイル基（
好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～
１２であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモイル、ジエチルカルバモイル、フェニ
ルカルバモイルなどが挙げられる。）、アルキルチオ基（好ましくは炭素数１～２０、よ
り好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメチルチオ
、エチルチオなどが挙げられる。）、アリールチオ基（好ましくは炭素数６～２０、より
好ましくは炭素数６～１６、特に好ましくは炭素数６～１２であり、例えばフェニルチオ
などが挙げられる。）、スルホニル基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素
数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメシル、トシルなどが挙げら
れる。）、スルフィニル基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭素数１～１６
、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼンスルフィ
ニルなどが挙げられる。）、ウレイド基（好ましくは炭素数１～２０、より好ましくは炭
素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばウレイド、メチルウレイド
、フェニルウレイドなどが挙げられる。）、リン酸アミド基（好ましくは炭素数１～２０
、より好ましくは炭素数１～１６、特に好ましくは炭素数１～１２であり、例えばジエチ
ルリン酸アミド、フェニルリン酸アミドなどが挙げられる。）、ヒドロキシ基、メルカプ
ト基、ハロゲン原子（例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、シアノ基
、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、スルフィノ基、ヒドラジノ
基、イミノ基、ヘテロ環基（好ましくは炭素数１～３０、より好ましくは１～１２であり
、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダ
ゾリル、ピリジル、キノリル、フリル、ピペリジル、モルホリノ、ベンゾオキサゾリル、
ベンズイミダゾリル、ベンズチアゾリルなどが挙げられる。）、シリル基（好ましくは、
炭素数３～４０、より好ましくは炭素数３～３０、特に好ましくは、炭素数３～２４であ
り、例えば、トリメチルシリル、トリフェニルシリルなどが挙げられる）などが挙げられ
る。これらの置換基は更に置換されてもよい。
【０１８１】
　また、置換基が二つ以上ある場合は、同じでも異なってもよい。また、可能な場合には
互いに連結して環を形成してもよい。
【０１８２】
　以下に一般式（５）で表される化合物に関して具体例をあげて詳細に説明するが、本発
明は以下の具体例によって何ら限定されることはない。
【０１８３】
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【０１８６】
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【０１８７】
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【化４３】

【０１９１】
　本発明一般式（５）で表される化合物は置換安息香酸とフェノール誘導体の一般的なエ
ステル反応によって合成でき、エステル結合形成反応であればどのような反応を用いても
よい。例えば、置換安息香酸を酸ハロゲン化物に官能基変換した後、フェノールと縮合す
る方法、縮合剤あるいは触媒を用いて置換安息香酸とフェノール誘導体を脱水縮合する方
法などがあげられる。
【０１９２】
　製造プロセス等を考慮すると置換安息香酸を酸ハロゲン化物に官能基変換した後、フェ
ノールと縮合する方法が好ましい。
【０１９３】
　反応溶媒として炭化水素系溶媒（好ましくはトルエン、キシレンが挙げられる。）、エ
ーテル系溶媒（好ましくはジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどが挙
げられる）、ケトン系溶媒、エステル系溶媒、アセトニトリル、ジメチルホルムアミド、
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ジメチルアセトアミドなどを用いることができる。これらの溶媒は単独でも数種を混合し
て用いてもよく、反応溶媒として好ましくはトルエン、アセトニトリル、ジメチルホルム
アミド、ジメチルアセトアミドである。
【０１９４】
　反応温度としては、好ましくは０～１５０℃、より好ましくは０～１００℃、更に好ま
しくは０～９０℃であり、特に好ましくは２０℃～９０℃である。
【０１９５】
　本反応には塩基を用いないのが好ましく、塩基を用いる場合には有機塩基、無機塩基の
どちらでもよく、好ましくは有機塩基であり、ピリジン、３級アルキルアミン（好ましく
はトリエチルアミン、エチルジイソプルピルアミンなどが挙げられる）である。
【０１９６】
　《可塑剤》
　本発明に用いられるドープには、いわゆる可塑剤として知られる化合物を、機械的性質
向上、柔軟性を付与、耐吸水性付与、水蒸気透過率低減、リターデーション調整等の目的
で添加することが好ましく、例えばリン酸エステルやカルボン酸エステルが好ましく用い
られる。また、特願２００１－１９８４５０に記載の重量平均分子量が５００以上１０，
０００であるエチレン性不飽和モノマーを重合して得られるポリマー、アクリル系ポリマ
ー、芳香環を側鎖に有するアクリル系ポリマーまたはシクロヘキシル基を側鎖に有するア
クリル系ポリマーなども好ましく用いられる。リン酸エステルとしては、例えばトリフェ
ニルホスフェート、トリクレジルホスフェート、フェニルジフェニルホスフェート等を挙
げることが出来る。カルボン酸エステルとしては、フタル酸エステル及びクエン酸エステ
ル等、フタル酸エステルとしては、例えばジメチルフタレート、ジエチルフタレート、ジ
シクロヘキシルフタレート、ジオクチルフタレート及びジエチルヘキシルフタレート等、
またクエン酸エステルとしてはクエン酸アセチルトリエチル及びクエン酸アセチルトリブ
チルを挙げることが出来る。またその他、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチ
ル、セバチン酸ジブチル、トリアセチン、トリメチロールプロパントリベンゾエート等も
挙げられる。アルキルフタリルアルキルグリコレートもこの目的で好ましく用いられる。
アルキルフタリルアルキルグリコレートのアルキルは炭素原子数１～８のアルキル基であ
る。アルキルフタリルアルキルグリコレートとしてはメチルフタリルメチルグリコレート
、エチルフタリルエチルグリコレート、プロピルフタリルプロピルグリコレート、ブチル
フタリルブチルグリコレート、オクチルフタリルオクチルグリコレート、メチルフタリル
エチルグリコレート、エチルフタリルメチルグリコレート、エチルフタリルプロピルグリ
コレート、プロピルフタリルエチルグリコレート、メチルフタリルプロピルグリコレート
、メチルフタリルブチルグリコレート、エチルフタリルブチルグリコレート、ブチルフタ
リルメチルグリコレート、ブチルフタリルエチルグリコレート、プロピルフタリルブチル
グリコレート、ブチルフタリルプロピルグリコレート、メチルフタリルオクチルグリコレ
ート、エチルフタリルオクチルグリコレート、オクチルフタリルメチルグリコレート、オ
クチルフタリルエチルグリコレート等を挙げることが出来、メチルフタリルメチルグリコ
レート、エチルフタリルエチルグリコレート、プロピルフタリルプロピルグリコレート、
ブチルフタリルブチルグリコレート、オクチルフタリルオクチルグリコレートが好ましく
、特にエチルフタリルエチルグリコレートが好ましく用いられる。またこれらアルキルフ
タリルアルキルグリコレート等を２種以上混合して使用してもよい。
【０１９７】
　これらの化合物の添加量は目的の効果の発現及びフィルムからのブリードアウト抑制な
どの観点から、セルロースエステルに対して１質量％～２０質量％が好ましい。また、延
伸及び乾燥中の加熱温度が２００℃程度まで上がるため、可塑剤としてはブリードアウト
を抑制させるためには、２００℃における蒸気圧が１３３３Ｐａ以下のものであることが
好ましい。
【０１９８】
　《紫外線吸収剤》
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　本発明に用いられる紫外線吸収剤としては、例えば、オキシベンゾフェノン系化合物、
ベンゾトリアゾール系化合物、サリチル酸エステル系化合物、ベンゾフェノン系化合物、
シアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等を挙げることが出来るが、着色の
少ないベンゾトリアゾール系化合物が好ましい。また、特開平１０－１８２６２１号、特
開平８－３３７５７４号記載の紫外線吸収剤、特開平６－１４８４３０号記載の高分子紫
外線吸収剤も好ましく用いられる。紫外線吸収剤としては、偏光子や液晶の劣化防止の観
点から、波長３７０ｎｍ以下の紫外線の吸収能に優れており、且つ、液晶表示性の観点か
ら、波長４００ｎｍ以上の可視光の吸収が少ないものが好ましい。
【０１９９】
　本発明に有用なベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の具体例として、２－（２′－ヒド
ロキシ－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－３′，
５′－ジ－ｔｅＲｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒドロキシ－
３′－ｔｅＲｔ－ブチル－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２′－ヒ
ドロキシ－３′，５′－ジ－ｔｅＲｔ－ブチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾー
ル、２－（２′－ヒドロキシ－３′－（３″，４″，５″，６″－テトラヒドロフタルイ
ミドメチル）－５′－メチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２，２－メチレンビス（４
－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イ
ル）フェノール）、２－（２′－ヒドロキシ－３′－ｔｅＲｔ－ブチル－５′－メチルフ
ェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル
）－６－（直鎖及び側鎖ドデシル）－４－メチルフェノール、オクチル－３－〔３－ｔｅ
Ｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－（クロロ－２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）
フェニル〕プロピオネートと２－エチルヘキシル－３－〔３－ｔｅＲｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシ－５－（５－クロロ－２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）フェニル〕プロピ
オネートの混合物等を挙げることが出来るが、これらに限定されない。また、市販品とし
て、チヌビン（ＴＩＮＵＶＩＮ）１０９、チヌビン（ＴＩＮＵＶＩＮ）１７１、チヌビン
（ＴＩＮＵＶＩＮ）３２６（何れもチバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）を好ましく
使用出来る。
【０２００】
　ベンゾフェノン系化合物の具体例として、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，
２′－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－５
－スルホベンゾフェノン、ビス（２－メトキシ－４－ヒドロキシ－５－ベンゾイルフェニ
ルメタン）等を挙げることが出来るが、これらに限定されない。
【０２０１】
　本発明で好ましく用いられる上記記載の紫外線吸収剤は、透明性が高く、偏光板や液晶
素子の劣化を防ぐ効果に優れたベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤やベンゾフェノン系紫
外線吸収剤が好ましく、不要な着色がより少ないベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤が特
に好ましく用いられる。紫外線吸収剤のドープへの添加方法は、ドープ中で紫外線吸収剤
が溶解するようなものであれば制限なく使用出来るが、本発明においては紫外線吸収剤を
メチレンクロライド、酢酸メチル、ジオキソランなどのセルロースエステルに対する良溶
媒、または良溶媒と低級脂肪族アルコール（メタノール、エタノール、プロパノール、ブ
タノール等）のような貧溶媒との混合有機溶媒に溶解し紫外線吸収剤溶液としてセルロー
スエステル溶液に混合してドープとする方法が好ましい。この場合出来るだけドープ溶媒
組成と紫外線吸収剤溶液の溶媒組成とを同じとするか近づけるのが好ましい。紫外線吸収
剤の含有量は０．０１質量％～５質量％、特に０．５質量％～３質量％である。
【０２０２】
　《酸化防止剤》
　酸化防止剤としては、ヒンダードフェノール系の化合物が好ましく用いられ、２，６－
ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ペンタエリスリチル－テトラキス〔３－（３，５－ジ
－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕、トリエチレングリコール－
ビス〔３－（３－ｔ－ブチル－５－メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕
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、１，６－ヘキサンジオール－ビス〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）プロピオネート〕、２，４－ビス－（ｎ－オクチルチオ）－６－（４－ヒドロキ
シ－３，５－ジ－ｔ－ブチルアニリノ）－１，３，５－トリアジン、２，２－チオ－ジエ
チレンビス〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート
〕、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオ
ネート、Ｎ，Ｎ′－ヘキサメチレンビス（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ヒ
ドロシンナマミド）、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔ－
ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、トリス－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－
ヒドロキシベンジル）－イソシアヌレイト等が挙げられる。特に２，６－ジ－ｔ－ブチル
－ｐ－クレゾール、ペンタエリスリチル－テトラキス〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－
４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕、トリエチレングリコール－ビス〔３－（３
－ｔ－ブチル－５－メチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕が好ましい。ま
た例えば、Ｎ，Ｎ′－ビス〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）
プロピオニル〕ヒドラジン等のヒドラジン系の金属不活性剤やトリス（２，４－ジ－ｔ－
ブチルフェニル）フォスファイト等のリン系加工安定剤を併用してもよい。これらの化合
物の添加量は、セルロースエステルに対して質量割合で１ｐｐｍ～１．０％が好ましく、
１０ｐｐｍ～１０００ｐｐｍが更に好ましい。
【０２０３】
　《マット剤》
　本発明において、マット剤をセルロースエステルフィルム中に含有させることによって
、搬送や巻き取りをし易くすることが出来る。マット剤は出来るだけ微粒子のものが好ま
しく、微粒子としては、例えば二酸化ケイ素、二酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化ジ
ルコニウム、炭酸カルシウム、カオリン、タルク、焼成ケイ酸カルシウム、水和ケイ酸カ
ルシウム、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、リン酸カルシウム等の無機微粒子
や架橋高分子微粒子を挙げることが出来る。中でも二酸化ケイ素がフィルムのヘイズを小
さく出来るので好ましい。
【０２０４】
　二酸化ケイ素のような微粒子は有機物により表面処理されている場合が多いが、このよ
うなものはフィルムのヘイズを低下出来るため好ましい。
【０２０５】
　表面処理で好ましい有機物としては、ハロシラン類、アルコキシシラン類、シラザン、
シロキサンなどが挙げられる。微粒子の平均粒径が大きい方が滑り性効果は大きく、反対
に平均粒径の小さい方は透明性に優れる。また、微粒子の二次粒子の平均粒径は０．０５
μｍ～１．０μｍの範囲である。好ましい微粒子の二次粒子の平均粒径は５ｎｍ～５０ｎ
ｍが好ましく、更に好ましくは、７ｎｍ～１４ｎｍである。これらの微粒子はセルロース
エステルフィルム中では、セルロースエステルフィルム表面に０．０１μｍ～１．０μｍ
の凹凸を生成させる為に好ましく用いられる。微粒子のセルロースエステル中の含有量は
セルロースエステルに対して０．００５質量％～０．３質量％が好ましい。
【０２０６】
　二酸化ケイ素の微粒子としては日本アエロジル（株）製のアエロジル（ＡＥＲＯＳＩＬ
）２００、２００Ｖ、３００、Ｒ９７２、Ｒ９７２Ｖ、Ｒ９７４、Ｒ２０２、Ｒ８１２、
ＯＸ５０、ＴＴ６００等を挙げることが出来、好ましくはアエロジル２００Ｖ、Ｒ９７２
、Ｒ９７２Ｖ、Ｒ９７４、Ｒ２０２、Ｒ８１２である。これらの微粒子は２種以上併用し
てもよい。２種以上併用する場合、任意の割合で混合して使用することが出来る。この場
合、平均粒径や材質の異なる微粒子、例えばアエロジル２００ＶとＲ９７２Ｖを質量比で
０．１：９９．９～９９．９：０．１の範囲で使用出来る。
【０２０７】
　配向層や液晶層を塗設する場合、マット剤の凸凹により配向が阻害される場合は、一方
の面の表層のみにマット剤を含有させることが出来る。或いは、これらのマット剤とセル
ロースエステルを含む（ジアセチルセルロース、セルロースアセテートプロピオネートな
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ど）塗布液を塗設して摩擦係数を低減し、滑り性を改善することも出来る。
【０２０８】
　《その他の添加剤》
　この他カオリン、タルク、ケイソウ土、石英、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化チ
タン、アルミナ等の無機微粒子、カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属の塩
などの熱安定剤を加えてもよい。更に帯電防止剤、難燃剤、滑剤、油剤等も加える場合が
ある。
【０２０９】
　（ｂ）流延工程：ドープを加圧型定量ギヤポンプを通して加圧ダイに送液し、無限に移
送する無端の金属ベルト、例えばステンレスベルト、或いは回転する金属ドラム等の金属
支持体上の流延位置に、加圧ダイからドープを流延する工程である。金属支持体の表面は
鏡面となっている。その他の流延する方法は流延されたドープ膜をブレードで膜厚を調節
するドクターブレード法、或いは逆回転するロールで調節するリバースロールコーターに
よる方法等があるが、口金部分のスリット形状を調製出来、膜厚を均一にし易い加圧ダイ
が好ましい。加圧ダイには、コートハンガーダイやＴダイ等があるが、何れも好ましく用
いられる。製膜速度を上げるために加圧ダイを金属支持体上に２基以上設け、ドープ量を
分割して重層してもよい。
【０２１０】
　（ｃ）溶媒蒸発工程：ウェブ（金属支持体上にドープを流延した以降のドープ膜の呼び
方をウェブとする）を金属支持体上で加熱し金属支持体からウェブが剥離可能になるまで
溶媒を蒸発させる工程である。溶媒を蒸発させるには、ウェブ側から風を吹かせる方法及
び／または金属支持体の裏面から液体により伝熱させる方法、輻射熱により表裏から伝熱
する方法等があるが、裏面液体伝熱の方法が乾燥効率の点で好ましい。またそれらを組み
合わせる方法も好ましい。
【０２１１】
　製膜速度を上げるため、金属支持体上でのウェブ温度を上げる方法が有効である。但し
、過剰な熱供給はウェブに含まれる溶媒によりウェブ内部からの発泡を引き起こすため、
ウェブの組成により好ましい乾燥速度が規定される。また、製膜速度を上げるためベルト
状の金属支持体の上に流延を行う方法も好ましく用いられる。ベルト状の支持体を用いて
流延を行う場合、ベルト長を長くすることにより流延速度を増加させることが出来る。但
し、ベルト長の拡大はベルト自重によるたわみを助長する。このたわみは製膜の際に振動
を引き起こし、流延時の膜厚を不均一にさせるため、ベルト長さとしては、４０ｍ～１２
０ｍであることが好ましい。
【０２１２】
　（ｄ）剥離工程：金属支持体上で溶媒が蒸発したウェブを、剥離位置で剥離する工程で
ある。剥離されたウェブは次工程に送られる。剥離する時点でのウェブの残留溶媒量があ
まり大き過ぎると剥離し難かったり、逆に金属支持体上で充分に乾燥させてから剥離する
と、途中でウェブの一部が剥がれたりする。
【０２１３】
　製膜速度を上げる方法（残留溶媒量が出来るだけ多いうちに剥離するため製膜速度を上
げることが出来る）としてゲル流延法（ゲルキャスティング）がある。
【０２１４】
　それは、ドープ中にセルロースエステルに対する貧溶媒を加えて、ドープ流延後、ゲル
化する方法、金属支持体の温度を低めてゲル化する方法等がある。金属支持体上でゲル化
させ剥離時の膜の強度を上げておくことによって、剥離を早め製膜速度を上げることが出
来るのである。
【０２１５】
　本発明においては、該金属支持体上の剥離位置における温度を１０℃～４０℃に調整す
ることが好ましく、更に好ましくは、１５℃～３０℃に調整することである。また、剥離
位置におけるウェブの残留溶媒量を５質量％～１２０質量％とすることが好ましい。本発
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明においては、残留溶媒量は前記一般式（１）で表すことが出来る。
【０２１６】
　ベルト状支持体上に製膜する場合、速度の上昇は上述のベルト振動を助長する。剥離時
の残留溶媒量及びベルト長さなどを考慮すると、製膜速度としては、１０ｍ／分～１２０
ｍ／分が好ましく、１５ｍ／分から６０ｍ／分が更に好ましい。
【０２１７】
　本発明において、ウェブ全幅に対する残留溶媒量を平均残留溶媒量、或いは中央部の残
留溶媒量ということがあり、またウェブの両端部の残留溶媒量というように局部的な残留
溶媒量をいう場合もある。
【０２１８】
　（ｅ）乾燥工程：剥離後、一般には、ウェブを千鳥状に配置したロールに交互に通して
搬送する乾燥装置及び／またはクリップでウェブの両端をクリップして搬送するテンター
装置を用いてウェブを乾燥する。乾燥の手段はウェブの両面に熱風を吹かせるのが一般的
であるが、風の代わりにマイクロウエーブを当てて加熱する手段もある。あまり急激な乾
燥は出来上がりのフィルムの平面性を損ね易い。全体を通して、通常乾燥温度は３０～２
５０℃の範囲で行われる。使用する溶媒によって、乾燥温度、乾燥風量及び乾燥時間が異
なり、使用溶媒の種類、組み合せに応じて乾燥条件を適宜選べばよい。
【０２１９】
　本発明において、工程Ｄ０とは、流延されたフィルムを剥離したのち、テンター部分ま
で搬送を行う工程をあらわす。工程Ｄ０では、延伸時のフィルム残留溶媒量をコントロー
ルする目的で、温度をコントロールすることが好ましい。工程Ｄ０でのフィルム残留溶媒
量にもよるが、搬送方向（以下、長手方向）への延伸が起こりにくく残留溶媒量を調整す
る意図で、２０℃～７０℃が好ましく、更に好ましくは、２０℃～６８℃であり、特に好
ましくは、２０℃～４０℃である。
【０２２０】
　工程Ｄ０において、フィルムの均一性を高める観点から、フィルム面内でありフィルム
搬送に対して垂直な方向（以下、幅手方向）でのフィルム雰囲気温度分布として好ましい
範囲が存在する。工程Ｄ０での温度分布は、±５℃以内が好ましく、±２℃以内がより好
まく、±１℃以内が最も好ましい。
【０２２１】
　工程Ｄ０でのフィルム搬送張力としては、支持体からの剥離条件及び工程Ｄ０での搬送
方向の伸びを防止する観点から、下記に示すような好ましい条件が存在する。
【０２２２】
　（工程Ｄ０でのフィルム搬送張力）
　工程Ｄ０でのフィルム搬送張力は、ドープの物性、剥離時及び工程Ｄ０での残留溶媒量
、工程Ｄ０での温度などに影響を受けるが、３０Ｎ／ｍ～３００Ｎ／ｍが好ましく、更に
好ましくは、５７Ｎ／ｍ～２８４Ｎ／ｍであり、特に好ましくは、５７Ｎ／ｍ～１７０Ｎ
／ｍである。
【０２２３】
　工程Ｄ０での搬送方向へフィルムの伸びを防止する目的で、テンションカットロールを
設けることが好ましい。
【０２２４】
　工程Ｄ０での良溶媒及び貧溶媒の比率はフィルム搬送に対しての伸びを防止する意味で
好ましい範囲が規定される。工程Ｄ０終点での貧溶媒質量／（良溶媒質量＋貧溶媒質量）
×１００（％）としては、９５質量％～１５質量％の範囲が好ましく、更に好ましくは、
９５質量％～２５質量％であり、特に好ましくは、９５質量％～３０質量％である。
【０２２５】
　（ｆ）延伸工程（テンター工程ともいう）
　本発明に係る延伸工程（テンター工程ともいう）について図２を用いて説明する。
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　図２において、工程Ａでは、図示されていないフィルム搬送工程Ｄ０から搬送されてき
たフィルムを把持する工程であり、次の工程Ｂにおいて、後述する図１に示すような延伸
角度でフイルムが幅手方向（フィルムの進行方向と直交する方向）に延伸され、工程Ｃに
おいては、延伸が終了し、フィルムが把持されたまま搬送される工程である。
【０２２６】
　本発明の位相差フィルムは、本発明に係る延伸処理を行い下記式（Ｉ）で示されるＲｏ
が２０～３００ｎｍの範囲であり、式（II）で示されるＲｔが７０～４００ｎｍの範囲に
あるセルロースエステルフィルムである。
【０２２７】
　　式（Ｉ）　Ｒｏ＝（ｎｘ－ｎｙ）×ｄ
　　式（II）　Ｒｔ＝｛（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ｝×ｄ〔式中、ｎｘはフィルム面内の
屈折率が最も大きい方向の屈折率、ｎｙはｎｘに直角な方向でのフィルム面内の屈折率、
ｎｚはフィルムの厚み方向の屈折率、ｄはフィルムの厚み（ｎｍ）をそれぞれ表す。〕
　即ち、本発明の位相差フィルムは、請求項１では最大延伸時の応力が破断点応力に対し
５０～９８％の範囲で延伸することを特徴とする。
【０２２８】
　最大延伸時の応力は、フィルムを把持するテンターのクリップ部分にロードセルを取り
付ける等の方法で測定する事が出来る。本発明では、最大延伸時における応力を以下の手
順で設定する。第一に幅手方向へのフィルム延伸倍率を増やしていき、フィルムが破断し
た時の荷重を測定する。この測定で得られた値を破断点応力とした。次に、第一の測定で
得られた荷重をもとにテンターの延伸倍率を無延伸状態から上げていき、最大延伸時の荷
重が第一の測定で得られた値に対して本発明の範囲に収めるようにフィルム延伸倍率を設
定する。
【０２２９】
　フィルムを幅手方向に延伸する際に、延伸過程を２段階以上の複数回に渡って逐次延伸
することや、延伸の速度を連続的に変化させることも出来る。２段階以上の逐次延伸の場
合、各段階においていずれかの延伸過程における最大延伸時の応力が破断点応力に対して
５０～９８％であることが好ましい。また、各段階すべてにおいて最大延伸時の応力が破
断点応力に対して５０～９８％の範囲であることが最も好ましい。延伸の速度を連続的に
変化させ最大延伸時の応力を調整することも好ましく行われる。この場合、最大延伸時の
応力以外にも延伸の途中段階での最大応力が測定される時点での延伸応力が、破断点応力
に対して５０～９８％の範囲に調整されることが好ましい。
【０２３０】
　破断点応力に対し最大延伸時の応力が５０％未満の力で延伸した場合は、位相差が出な
いか若しくは上記リターデーション値の幅方向でのばらつきが大きくなり、逆に９８％を
超えた力で延伸した場合はヘイズが出やすい。
【０２３１】
　具体的には、破断点応力に対し６０～９５％の範囲で制御することが好ましく、７０～
９５％の範囲で制御する事がさらに好ましく、８０～９５％の範囲で制御することが最も
好ましい。
【０２３２】
　請求項１では、最大延伸時の応力絶対値が５～５０ＭＰａの範囲で延伸することを特徴
とする。
【０２３３】
　最大延伸時の応力絶対値は上述の荷重測定方法と延伸時のフィルム厚み、クリップ間距
離から算出することができる。最大延伸時の荷重をフィルム厚みおよびクリップ間距離で
除した値を最大延伸時の応力絶対値とし、ＭＰａ単位で表した。
【０２３４】
　フィルムを幅手方向に延伸する際に、延伸過程を２段階以上の複数回に渡って逐次延伸
することや、延伸の速度を連続的に変化させることも出来る。２段階以上の逐次延伸の場
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合、各段階においていずれかの延伸過程における最大延伸時の応力絶対値が５～５０ＭＰ
ａの範囲でであることが好ましい。また、各段階すべてにおいて最大延伸時の応力絶対値
が５～５０ＭＰａの範囲であることが最も好ましい。延伸の速度を連続的に変化させ最大
延伸時の応力絶対値を調整することも好ましく行われる。この場合、最大延伸時の応力以
外にも延伸の途中段階での最大応力が測定される時点での延伸応力絶対値が、５～５０Ｍ
Ｐａの範囲に調整されることが好ましい。最大延伸時の応力絶対値が５ＭＰａ未満の場合
は、位相差が出ないか若しくは上記リターデーション値の幅方向でのばらつきが大きくな
り、５０ＭＰａを超えるとこれもリターデーション値の幅方向でのばらつきが大きくなっ
たり、条件によっては破断が発生する。
【０２３５】
　具体的には、最大延伸時の応力絶対値が、１０～４０ＭＰａの範囲で制御することが好
ましく、１５～３０ＭＰａの範囲で制御する事がさらに好ましく、１８～２５ＭＰａの範
囲で制御することが最も好ましい。
【０２３６】
　請求項１では、最大延伸時の応力勾配が０．４～０．８ＭＰａ／％の範囲で延伸するこ
とを特徴とする。最大延伸時の応力勾配とは、幅手方向にフィルムを延伸する際に、フィ
ルムを把持するクリップ部分にロードセルを取り付け経時での荷重を測定し、さらに、そ
の時の延伸倍率及びフィルム厚さを測定することにより求めることが出来る。具体的には
、Ｘ軸に延伸倍率（％）、Ｙ軸に延伸時応力（ＭＰａ）をとりその傾きから求めることが
出来る。
【０２３７】
　フィルムを幅手方向に延伸する際に、延伸過程を２段階以上の複数回に渡って逐次延伸
することや、延伸の速度を連続的に変化させることも出来る。２段階以上の逐次延伸の場
合、各段階においていずれかの延伸過程における最大延伸時の応力勾配が０．４～０．８
ＭＰａ／％の範囲でであることが好ましい。また、各段階すべてにおいて最大延伸時の応
力勾配が５～５０ＭＰａの範囲であることが最も好ましい。延伸の速度を連続的に変化さ
せ最大延伸時の応力勾配を調整することも好ましく行われる。この場合、最大延伸時の応
力勾配以外にも降伏点を越えた延伸区間において、途中段階での最大応力が測定される時
点での延伸応力絶対値が、０．４～０．８ＭＰａ／％の範囲に調整されることが好ましい
。
【０２３８】
　最大延伸時の応力勾配が０．４ＭＰａ／％未満であると、位相差が出ないか若しくは上
記リターデーション値の幅方向でのばらつきが大きくなり、０．８ＭＰａ／％を超えると
これもリターデーション値の幅方向でのばらつきが大きくなる。
【０２３９】
　具体的には、最大延伸時の応力勾配が、０．４５～０．７５ＭＰａ／％の範囲で制御す
ることが好ましく、０．４５～０．７ＭＰａ／％の範囲で制御する事がさらに好ましく、
０．４５～０．５５ＭＰａ／％の範囲で制御することが最も好ましい。
【０２４０】
　破断点応力は、延伸するフィルムの素材、延伸時、温度、延伸速度、テンター内での乾
燥風量（制圧）等の延伸条件により調整が可能である。
【０２４１】
　延伸するフィルムの素材としてセルロースエステルを選択した場合、セルロースエステ
ルの分子間水素結合性の影響が大きく、その効果を弱める要素は破断点応力を下げる傾向
がある。具体的には、セルロースエステルの総置換度が高く、XとYの比率においてY比率
が高く、分子量が低く、破断点応力は低くなる傾向がある。添加剤としては、水素結合性
を持ちうる部位を持ち、分子間力を弱める要素は破断点応力を大きく下げる傾向がある。
また、セルロースエステル分子の間に入り込み分子間距離を伸ばす嵩高い添加剤も破断点
応力を下げる傾向がある。
【０２４２】
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　有機溶媒としては、延伸時にフィルムに含まれる溶媒量の増加、貧溶媒比率が減少する
と破断点応力は低下する傾向がある。
【０２４３】
　また、延伸条件としては延伸温度が高く、延伸速度が遅いほうが破断点応力は小さくな
る傾向がある。これらの要素により本発明は達成することが出来る。
【０２４４】
　延伸時の応力は、フィルム延伸時の温度、フィルム中の残留溶媒量、フィルム延伸倍率
、フィルムの延伸速度、テンター中での乾燥風量（静圧）等により制御することが出来る
。上記した破断点応力の調整要素を制御し、かつ最大延伸時の調整要素を制御することに
より本発明は達成することができる。効率の良い位相差発現のためには、比較的低温度、
低残留溶媒量での延伸が好ましい。しかしながら、この様な条件では、比較的低延伸倍率
、低風量での延伸となりフィルムは幅手方向で位相差ムラが発生し易く、均一性に悪影響
を及ぼす。また、フィルムの位相差均一性を重視すると比較的高温、高残留溶媒量、高風
量での延伸条件となり、このような条件では位相差の発現効率が落ち問題となる。このこ
とから、本発明では上記条件を適宜調整し、最大延伸時の応力、最大延伸時の応力と破断
点応力、最大延伸時の応力勾配を制御することにより、均一性にすぐれた位相差フィルム
を得ることが出来た。
【０２４５】
　（セルロースエステルフィルムのリターデーション（Ｒｏ、Ｒｔ）特性）
　前記したように、本発明のセルロースエステルフィルムのフィルムの面内方向のリター
デーション（Ｒｏ）としては２０ｎｍ～３００ｎｍの範囲が好ましく、更に好ましくは、
３０ｎｍ～２００ｎｍの範囲であり、特に好ましくは、４０ｎｍ～１５０ｎｍがであり、
最も好ましくは、４０ｎｍ～７５ｎｍの範囲である。
【０２４６】
　また、同上の理由で、本発明にセルロースエステルフィルムのフィルムの厚み方向のリ
ターデーション（Ｒｔ）としては、７０ｎｍ～１０００ｎｍの範囲が好ましく、更に好ま
しくは、７０ｎｍ～５００ｎｍの範囲であり、特に好ましくは、７０ｎｍ～２５０ｎｍの
範囲である。
【０２４７】
　また、セルロースエステルフィルムを幅手方向に延伸する際に、幅手方向での配向角分
布をある範囲に制御しながら延伸する事が特に好ましい。配向角が幅手方向の何れの測定
点においても、測定点すべての平均配向角の角度から±２°以内が好ましく、±１°がよ
り好ましく、±０．５°が最も好ましい。
【０２４８】
　（配向角）
　本発明において、配向角とはセルロースエステルフィルム面内における遅相軸の方向（
流延製膜時の幅手方向に対する角度）を表し、また、配向角の測定は、自動複屈折計ＫＯ
ＢＵＲＡ－２１ＡＤＨを用いて行った。
【０２４９】
　幅手延伸したセルロースエステルフィルムの配向角が乱れることは、フィルムの長手方
向に意図しない延伸が起こったことが原因の一つであると考えられる。長手方向に意図し
ない延伸が行われると、長手方向に遅相軸を持つ面内リターデーションを持ち、更にフィ
ルムの厚み方向のリターデーションをも上昇させ、配向角分布を劣化させる。このフィル
ムを幅手方向に遅相軸を持つ面内リターデーションを持たせるには、前述の長手方向に遅
相軸をもつ面内リターデーションをキャンセルする必要が生ずるため、更にフィルム厚み
方向のリターデーション上昇を引き起こす。従って、配向角を均一に制御することにより
面内、及び厚み方向のリターデーションを均一にすることができる。
【０２５０】
　（セルロースエステルフィルムのリターデーション分布）
　液晶ディスプレーの視野角拡大機能を持たせるためには、液晶セル内の液晶部材に合わ
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せて好適なリタデーション範囲がある。本発明のセルロースエステルフィルムのフィルム
の面内方向のリターデーション（Ｒｏ）としては２０ｎｍ～３００ｎｍの範囲が好ましく
、更に好ましくは、３０ｎｍ～２００ｎｍの範囲であり、特に好ましくは、４０ｎｍ～１
５０ｎｍがであり、最も好ましくは、４０ｎｍ～７５ｎｍの範囲である。
【０２５１】
　また、同上の理由で、本発明にセルロースエステルフィルムのフィルムの厚み方向のリ
ターデーション（Ｒｔ）としては、７０ｎｍ～４００ｎｍの範囲が好ましく、更に好まし
くは、７０ｎｍ～３００ｎｍの範囲であり、特に好ましくは、７０ｎｍ～２００ｎｍの範
囲である。
【０２５２】
　位相差測定は以下の手順で行った。まずアッベの屈折率計により試料の平均屈折率を求
めた。さらに、自動複屈折計ＫＯＢＲＡ－２１ＡＤＨ（王子計測機器（株）製）を用いて
、２３℃、５５％ＲＨの環境下で、波長が５９０ｎｍにおいて、試料を遅相軸を軸として
傾斜させその時の光量から位相差を測定した。ここで得られた位相差を用いてフィルム面
内方向のリタデーション（Ｒｏ）および膜厚方向のリタデーション（Ｒｔ）を計算により
算出した。
【０２５３】
　（セルロースエステルフィルムのリターデーション分布）
　本発明においては、セルロースエステルフィルムの面内方向のリターデーション（Ｒｏ
）分布を好ましくは５％以下に調整し、更に好ましくは２％以下であり、特に好ましくは
１．５％以下である。また、フィルムの厚み方向のリターデーション（Ｒｔ）分布を好ま
しくは１０％以下に調整し、更に好ましくは２％以下であり、特に好ましくは１．５％以
下である。
【０２５４】
　上記、リターデーション分布の数値は、得られたフィルムの幅手方向に１ｃｍ間隔でリ
ターデーションを測定し、得られたリターデーションの変動係数（ＣＶ）で表したもので
ある。測定には自動複屈折計ＫＯＢＵＲＡ・２１ＡＤＨ（王子計測器（株）製）を用いて
、２３℃、５５％ＲＨの環境下で、波長が５９０ｎｍにおいて、試料の幅手方向に１ｃｍ
間隔で３次元複屈折率測定を行った。得られた面内および厚み方向のリターデーションを
それぞれ（ｎ－１）法による標準偏差をもとめた。リターデーション分布は以下で示され
る変動係数（ＣＶ）を求め、指標とした。実際の測定にあたっては、ｎとしては、１３０
～１４０に設定した。
【０２５５】
　変動係数（ＣＶ）＝標準偏差／リターデーション平均値
　（セルロースエステルフィルムのヘイズ値）
　液晶ディスプレイ用に使用される位相差フィルムは、バックライトを効率的に利用する
観点、および表示の鮮明さの観点から低ヘイズであることが望まれる。延伸終了後のフィ
ルムヘイズ値は２％以内が好ましく、１．５％以内がより好ましく、１％以内がもっとも
好ましい。
【０２５６】
　ＪＩＳ　Ｋ－６７１４に従って、ヘイズメーター（１００１ＤＰ型、日本電色工業（株
）製）を用いて測定し、透明性の指標とした。
【０２５７】
　（位相差フィルムの残留溶媒量）
　残留溶媒を含んだサンプルから、残留溶媒を減圧捕集し、ガスクロマトグラフィー測定
により各溶媒の定量を行った。
【０２５８】
　（ケン化処理後接触角）
　試料を２．５Ｍ－ＮａＯＨに５０℃、２．５分処理、続いて純水により２．５分洗浄を
行った。処理後の試料を温度２３℃、相対湿度５５％条件で２４Ｈ調湿し、共和界面科学
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株式会社製接触角計ＣＡ－Ｄ型を用いて測定した。
【０２５９】
　本発明の位相差フィルム（位相差板ともいう）について説明する。
【０２６０】
　本発明のセルロースエステルフィルムは、それ自身で液晶表示装置の視野角を拡大する
位相差フィルム（位相差板ともいう）として使用することが出来る。また、本発明の位相
差フィルム上に直接またはその他の層を介して、光学異方性化合物を含む光学異方性を設
け、光学補償シートが得ることが出来る。
【０２６１】
　本発明の偏光板、それを用いた本発明の液晶表示装置について説明する。
【０２６２】
　本発明の偏光板に用いる偏光子としては、従来公知のものを用いることができる。例え
ば、ポリビニルアルコールの如き親水性ポリマーからなるフィルムを、ヨウ素の如き二色
性染料で処理して延伸したものや、塩化ビニルの如きプラスチックフィルムを処理して配
向させたものを用いる。こうして得られた偏光子を、セルロースエステルフィルムにより
ラミネートする。
【０２６３】
　そして、偏光板は、本発明の位相差フィルムを偏光子の少なくとも片側に積層したもの
として構成される。
【０２６４】
　本発明の位相差フィルムは偏光板保護フィルムとしても好ましく用いることが出来る。
ポリビニルアルコールを用いた偏光子を用いる場合、接着性の観点から本発明の位相差フ
ィルムはセルロースエステルであることが特に好ましい。この様にして得られた偏光板が
、液晶セルのセル側一面に設けても良く、両面側に設けてもよい。いずれの場合において
も、本発明の位相差フィルムは偏光子に対して液晶セルに近い方に貼りつけて、本発明の
液晶表示装置が得ることが出来る。
【０２６５】
　本発明の偏光板を液晶表示装置に組み込むことによって、種々の視認性に優れた本発明
の液晶表示装置を作製することが出来る。本発明の位相差フィルムは反射型、透過型、半
透過型ＬＣＤ或いはＴＮ型、ＳＴＮ型、ＯＣＢ型、ＨＡＮ型、ＶＡ型（ＰＶＡ型、ＭＶＡ
型）、ＩＰＳ型等の各種駆動方式のＬＣＤで好ましく用いられる。
【０２６６】
　液晶表示装置に本発明の光学補償フィルムを設置する場合、駆動用液晶セルの両側に位
置する一対の基板の上下に配置された上側偏光子と下側偏光子が通常構成されるが、この
とき該基板と上側もしくは下側偏光子のどちらか一方の間、または該基板と上側および下
側偏光子のそれぞれ間に本発明の光学補償フィルムを少なくとも１枚設置されるが、低コ
スト化の観点と本発明の目的を効果的に発現させるためには、表示装置とした場合の観察
者側の偏光子と駆動セル側との基板の間に本発明の光学補償フィルムを１枚設置すること
が好ましい。
【０２６７】
　液晶表示装置が特にツイステッドネマティック型（ＴＮ型）液晶表示装置である場合、
ＴＮ型液晶セルに最も近い基板に前記光学補償フィルムのセルロースエステルフィルム支
持体面が接触する方向に位相差フィルムを貼合し、かつ位相差フィルムの最大屈折率方向
が前記液晶セルに最も近い基板のネマティック液晶の配向方向と実質的に直交した方向に
貼合することが本発明の目的を効果的に発現できる。実質的に直交とは、９０°±５°で
あるが、９０°にすることが好ましい。
<<液晶セル反り量>>
　液晶表示装置は液晶セルと偏光板を貼合した構成を含む。熱や湿度等の環境変動の影響
、またさらにはこれらの影響による経時での影響により寸法変化を起こす。これにより液
晶セルは偏光板から応力を受けることになる。偏光板からの応力は液晶セルに伝播し液晶
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セルのギャップに変化を与え表示の均一性に問題を与える。本発明では、上記の偏光板保
護フィルムの製造方法およびリターデーション上昇剤の種類を選択することにより、この
問題を解決することが出来た。リターデーション上昇剤としては安息香酸フェニルエステ
ル化合物、1,3,5,-トリアジン環を有する化合物、トランス-1,4-シクロヘキサンジカルボ
ン酸エステル化合物が好ましい。
（反り量の測定）
　各偏光板を、吸収軸角度４５°となるように、２３４ｍｍ×３１０ｍｍの大きさに切断
した。各偏光板と厚み０．７ｍｍのガラス板（２５０ｍｍ×３５０ｍｍ）とをアクリル系
粘着剤を介してに貼り合わせ、評価用の積層体を作製した。そして、前記各積層体に、６
０℃９０％RHで２４時間加熱処理を施した後、前記積層体を、平滑で水平な測定台に置き
、前記積層体の４角における前記測定台に対する反り量（ｍｍ）、つまり、前記積層体の
４角が前記測定台からどれだけ離れているか（空間距離）を測定した。前記４角における
反り量のうち最も大きい値を最大反り量（ｍｍ）とした。
また、実施例での評価結果について以下のように◎、○、△、×で示した。
◎：３ｍｍ未満
○：３ｍｍ以上４ｍｍ未満
△：４ｍｍ以上５ｍｍ未満
×：５ｍｍ以上
【実施例】
【０２６８】
　以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【０２６９】
　実施例１
　（位相差フィルムの作製）
　（ドープ組成）
　最初に実施例で用いるセルロースエステルフィルムのドープ組成について示す。
【０２７０】
　セルロースエステル：アセチル基置換度２．７１　　　　　　　　　　１００質量部
　リターデーション上昇剤：スミソルブＴＭ１６５Ｆ（住友化学製）　　　　１質量部
　溶媒：メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
　　　　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８質量部
　可塑剤：トリフェニルフォスフェート　　　　　　　　　　　　　　　　　８質量部
　　　　　エチルフタリルエチルグリコレート　　　　　　　　　　　　　　２質量部
　紫外線吸収剤：
　　　　Ｔｉ３２６（チバスペシャルティケミカルズ（株）製）　　　　０．３質量部
　　　　Ｔｉ１０９（チバスペシャルティケミカルズ（株）製）　　　　０．５質量部
　　　　Ｔｉ１７１（チバスペシャルティケミカルズ（株）製）　　　　０．５質量部
　マット剤：Ｒ９７２Ｖ（日本アエロジル（株）製）　　　　　　　　　０．２質量部
　上記組成のドープ液を加圧溶解タンクに投入し、加熱、攪拌しながら完全に溶解し、こ
れを安積濾紙（株）製の安積濾紙Ｎｏ．２４４を使用して濾過し、ドープ液を調製した。
【０２７１】
　次いでベルト流延装置を用い、幅２ｍのステンレスバンド支持体に均一に流延した。ス
テンレスバンド支持体上で、残留溶媒量が１１０％になるまで溶媒を蒸発させ、ステンレ
スバンド支持体から剥離した。剥離の際に張力をかけて縦（ＭＤ）延伸倍率が１．０倍と
なるように延伸し、次いで、テンターでウェブ両端部を把持し、幅手（ＴＤ）方向の延伸
倍率が１．２５倍となるように延伸した。その際下記実施例の条件になるように延伸した
後、その幅を維持したまま数秒間保持し、幅方向の張力を緩和させた後幅保持を解放し、
更に１２５℃に設定された第３乾燥ゾーンで３０分間搬送させて乾燥を行い、幅１．５ｍ
、かつ端部に幅１ｃｍ、高さ８μｍのナーリングを有する膜厚８０μｍの位相差フィルム
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１～８を作製した。
【０２７２】
　上記幅手（ＴＤ）方向へ延伸する際に、最大延伸時応力／破断点応力：Ａ（％）を下記
表１に示す条件に変更し、作製した位相差フィルムについて、ヘイズ、リターデーション
Ｒｏ、Ｒｔばらつきを評価した。
【０２７３】
　〈評価〉
　（ヘイズ）
　上記作製した位相差フィルムについて、フィルム試料１枚をＪＩＳ　Ｋ－６７１４に従
って、ヘイズメーター（１００１ＤＰ型、日本電色工業（株）製）を使用して測定し、以
下のようにヘイズをランク分けし評価する。
【０２７４】
　◎：ヘイズ１％未満
　○：ヘイズ１％以上１．５％未満
　△：ヘイズ１．５％以上２％未満
　×：ヘイズ２％以上。
【０２７５】
　（リターデーションＲｏ、Ｒｔばらつき）
　得られたフィルムの幅手方向に１ｃｍ間隔でリターデーションを測定し、得られたリタ
ーデーションの変動係数（ＣＶ）で表したものである。測定には自動複屈折計ＫＯＢＵＲ
Ａ・２１ＡＤＨ（王子計測器（株）製）を用いて、２３℃、５５％ＲＨの環境下で、波長
が５９０ｎｍにおいて、試料の幅手方向に１ｃｍ間隔で３次元複屈折率測定を行った。得
られた面内および厚み方向のリターデーションをそれぞれ（ｎ－１）法による標準偏差を
もとめた。リターデーション分布は以下で示される変動係数（ＣＶ）を求め、指標とした
。実際の測定にあたっては、ｎとしては、１３０～１４０に設定した。
【０２７６】
　変動係数（ＣＶ）＝標準偏差／リターデーション平均値
　◎：ばらつきが（ＣＶ）が１．５％未満
　○：ばらつき（ＣＶ）が１．５％以上５％未満
　△：ばらつき（ＣＶ）が５％以上、１０％未満
　×：ばらつき（ＣＶ）が１０％以上
【０２７７】
【表１】

【０２７８】
　上表から、本発明の位相差フィルム２～７は、ヘイズ、リターデーションＲｏ、Ｒｔの
ばらつきが比較例に対し良好なことが分かる。
【０２７９】
　実施例２
　実施例１で用いたセルロースエステルをアセチル基置換度２．７３、プロピオニル基置
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換度０．２のものに変更し、かつ延伸条件を下記に変更した以外は同様にして位相差フィ
ルム９～１７を作製した。
【０２８０】
　幅手（ＴＤ）方向へ延伸する際に、最大延伸時応力絶対値：Ｂ（ＭＰａ）を下記表２に
示す条件に変更し、作製した位相差フィルムについて、ヘイズ、リターデーションＲｏ、
Ｒｔばらつきを評価した。
【０２８１】
【表２】

【０２８２】
　上表から、本発明の位相差フィルム１０～１６は、ヘイズ、リターデーションＲｏ、Ｒ
ｔのばらつきが比較例に対し良好なことが分かる。
【０２８３】
　実施例３
　実施例１で用いたセルロースエステルをアセチル基置換度２．７８のものに変更し、更
にリターデーション上昇剤量を１．５質量部に変更し、かつ延伸条件を下記に変更した以
外は同様にして位相差フィルム１８～２５を作製した。
【０２８４】
　幅手（ＴＤ）方向へ延伸する際に、最大延伸時の応力勾配：Ｃ（ＭＰａ／％）を下記表
３に示す条件に変更し、作製した位相差フィルムについて、ヘイズ、リターデーションＲ
ｏ、Ｒｔばらつきを評価した。
【０２８５】

【表３】

【０２８６】
　上表から、本発明の位相差フィルム１９～２４は、ヘイズ、リターデーションＲｏ、Ｒ
ｔのばらつきが比較例に対し良好なことが分かる。
【０２８７】
　実施例４
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　実施例１で用いたセルロースエステルをアセチル基置換度１．９、プロピオニル基置換
度０．８２のものに変更し、更にリターデーション上昇剤量を０．５質量部に変更し、か
つ延伸条件を下記に変更した以外は同様にして位相差フィルム２６、２７を作製した。
【０２８８】
　幅手（ＴＤ）方向へ延伸する際に、最大延伸時応力／破断点応力：Ａ（％）、最大延伸
時応力絶対値：Ｂ（ＭＰａ）、最大延伸時の応力勾配：Ｃ（ＭＰａ／％）を下記表４に示
す条件に変更し、作製した位相差フィルムについて、ヘイズ、リターデーションＲｏ、Ｒ
ｔばらつきを評価した。
【０２８９】
　また、位相差フィルム２６、２７のリターデーション値はＲｏが各々５７、５５であり
、Ｒｔが各々１４８、１２６であった。
【０２９０】
【表４】

【０２９１】
　上表から、本発明の位相差フィルム２７は、ヘイズ、リターデーションＲｏ、Ｒｔのば
らつきが比較例に対し著しく良好なことが分かる。
【０２９２】
　実施例５
　《偏光板の作製》
　厚さ、１２０μｍのポリビニルアルコールフィルムを、一軸延伸（温度１１０℃、延伸
倍率５倍）した。これをヨウ素０．０７５ｇ、ヨウ化カリウム５ｇ、水１００ｇからなる
水溶液に６０秒間浸漬し、次いでヨウ化カリウム６ｇ、ホウ酸７．５ｇ、水１００ｇから
なる６８℃の水溶液に浸漬した。これを水洗、乾燥し偏光膜を得た。
【０２９３】
　次いで、下記工程１～５に従って偏光膜と前記位相差フィルム２６、２７、裏面側のセ
ルロースエステルフィルムを貼り合わせて偏光板を作製した。裏面側の偏光板保護フィル
ムには市販のセルロースエステルフィルムであるコニカミノルタタックＫＣ８ＵＸ（コニ
カミノルタオプト（株）製）を用いてそれぞれ偏光板とした。
【０２９４】
　工程１：６０℃の２モル／Ｌの水酸化ナトリウム溶液に９０秒間浸漬し、次いで水洗し
乾燥して、偏光子と貼合する側を鹸化した前記位相差フィルムを得た。
【０２９５】
　工程２：前記偏光膜を固形分２質量％のポリビニルアルコール接着剤槽中に１～２秒浸
漬した。
【０２９６】
　工程３：工程２で偏光膜に付着した過剰の接着剤を軽く拭き除き、これを工程１で処理
した位相差フィルムの上にのせて積層した。
【０２９７】
　工程４：工程３で積層した位相差フィルム試料と偏光膜とセルロースエステルフィルム
を圧力２０～３０Ｎ／ｃｍ2、搬送スピードは約２ｍ／分で貼合した。
【０２９８】
　工程５：８０℃の乾燥機中に工程４で作製した偏光膜とセルロースエステルフィルムと
位相差フィルムとを貼り合わせた試料を２分間乾燥し、偏光板を作製した。位相差フィル
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ム２６、２７をそれぞれ用いて、偏光板２６、２７を作製した。
【０２９９】
　《液晶表示装置の作製》
　視認性評価を行う液晶パネルを以下のようにして作製し、液晶表示装置としての特性を
評価した。
【０３００】
　富士通製１５型ディスプレイＶＬ－１５０ＳＤの予め貼合されていた両面の偏光板を剥
がして、上記作製した偏光板２６、２７をそれぞれ液晶セルのガラス面に貼合した。
【０３０１】
　その際、その偏光板の貼合の向きは、上記位相差フィルムの面が、液晶セル側となるよ
うに、かつ、予め貼合されていた偏光板と同一の方向に吸収軸が向くように行い、液晶表
示装置２６、２７を各々作製した。
【０３０２】
　得られた液晶表示装置について、目視観察にて視認性を評価したところ、本発明の液晶
表示装置２７は均一性に富み視認性が優れていたの対し、比較例の液晶表示装置２６は色
ムラが多く観察され視認性が不良であった。
【０３０３】
　実施例６
（ドープの作成）
以下にセルロースエステルフィルムのドープ組成について示す。
セルロースエステル：アセチル基置換度２．８1　　　　　　　　 　　１００質量部
　リタデーション上昇剤：一般式（５）化合物（Ａ－２）　　　　　　１．９質量部
溶媒：メチレンクロライド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
　　　　エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８質量部
　可塑剤：トリフェニルフォスフェート　　　　　　　　　　　　　　　　　８質量部
　　　　　エチルフタリルエチルグリコレート　　　　　　　　　　　　　　２質量部
　紫外線吸収剤：
　　　　Ｔｉ３２６（チバスペシャルティケミカルズ（株）製）　　　　０．３質量部
　　　　Ｔｉ１０９（チバスペシャルティケミカルズ（株）製）　　　　０．５質量部
　　　　Ｔｉ１７１（チバスペシャルティケミカルズ（株）製）　　　　０．５質量部
　マット剤：Ｒ９７２Ｖ（日本アエロジル（株）製）　　　　　　　　　０．２質量部
上記のドープ液を使用して実施例１と同様にして棒状液晶+置換度２．８のセルロースエ
ステル２８から５５を作成した。また、実施例５と同様にしてセルロースエステル２８か
ら５５を用いた偏光板２８～５５を作成した。
得られたセルロースエステルおよび偏光板とそれぞれの作成条件および評価結果を表５に
まとめて記載する。
【０３０４】
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【表５】

【０３０５】
　表５に示されるように本発明の位相差フィルムはヘイズ、リターデーションRo、Rtのバ
ラつき、反り量が比較例に対して良好なことが判る。
また、反り量の評価で良好な結果が得られた試料は液晶表示装置にしたときの表示均一性
についても特に優れた効果を示した。
【図面の簡単な説明】
【０３０６】
【図１】延伸工程での延伸角度を説明する図である。
【図２】本発明に用いられるテンター工程の１例を示す概略図である。
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